
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一画素中に透過用領域と反射用領域を含み、複数色の画素が配されたカラーフィルター
であって、少なくとも１色の画素については複数の着色層が積層され、かつ、最上層が感
光性カラーレジストからなる構造を有し、かつ、反射用領域において基板と着色層の間に
膜厚が１～５μｍの透明樹脂層を有し、透過用領域の最上層の着色層膜厚が反射用領域の
最上層の着色層膜厚より大き

ことを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルター。
【請求項２】
　複数の着色層が積層された画素において、該積層された部分における最上層の感光性カ
ラーレジストからなる着色層とそれ以外の着色層の着色が異なることを特徴とする請求項
１に記載の液晶表示装置用カラーフィルター。
【請求項３】
　透過用領域と反射用領域を含んだ画素において、透過用領域のトータルの膜厚が、透明
樹脂層を含む反射用領域のトータルの膜厚より小さいことを特徴とする請求項１または２
のいずれかに記載の液晶表示装置用カラーフィルター。
【請求項４】
　２層のうちの下層の着色層が非感光性カラーペーストからなることを特徴とする請求項

に記載の液晶表示装置用カラーフィルター。
【請求項５】
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く、透過用領域に積層された着色層数が２層であり、反射領
域の着色層数が１層である
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　非感光性カラーペーストがポリイミド樹脂を含むことを特徴とする請求項 に記載の液
晶表示装置用カラーフィルター。
【請求項６】
　反射用領域に形成する透明樹脂層が感光性レジストからなることを特徴とする請求項１
～ のいずれかに記載の液晶表示装置用カラーフィルター。
【請求項７】
　感光性レジストが感光性アクリルレジストからなることを特徴とする請求項 に記載の
液晶表示装置用カラーフィルター。
【請求項８】
　反射用領域に形成する透明樹脂層が非感光性ペーストからなることを特徴とする請求項
１～ のいずれかに記載の液晶表示装置用カラーフィルター。
【請求項９】
　非感光性ペーストがポリイミド樹脂を含むことを特徴とする請求項 に記載の液晶表示
装置用カラーフィルター。
【請求項１０】
　画素上にオーバーコート層を有することを特徴とする請求項１～ のいずれかに記載の
液晶表示装置用カラーフィルター。
【請求項１１】
　複数色の画素を含み、画素は透過用領域と反射用領域を含むカラーフィルターであって
、下記工程をこの順に含むことを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルターの製造方法
。
　　（Ａ）少なくとも１色の画素の反射用領域において、基板上に膜厚１～５μｍの透明
樹脂層を形成する工程
　　（Ｂ）少なくとも１色の画素について、非感光性カラーペーストからなる着色層と感
光性 カラーレジストからなる着色層を積層して、最上層に感光性 カラー
レジストを有する複数の着色層が積層され、かつ透過用領域の最上層の着色層膜厚が反射
用領域の最上層の着色層膜厚より大きい構造の画素を形成する工程
　　

【請求項１２】
　請求項１～ のいずれかに記載のカラーフィルターを用いたことを特徴とする液晶表
示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カラーフィルター、およびそれを用いた液晶表示装置、および透過型液晶表示
と反射型液晶表示の両方の方式を兼ね備えた半透過型液晶表示装置、およびカラーフィル
ターの製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
現在、液晶表示装置は軽量、薄型、低消費電力等の特性を生かし、ノートＰＣ、携帯情報
端末、デスクトップモニタ、デジタルカメラなど様々な用途で使用されている。バックラ
イトを使用した液晶表示装置においては、低消費電力化を進めるためにバックライト光の
利用効率を高めることが求められ、カラーフィルターの高透過率化が要求されている。一
方、カラーフィルターの透過率は年々向上しているが、透過率向上による消費電力の大幅
な低下は望めなくなってきている。最近では電力消費量の大きなバックライト光源を必要
としない反射型液晶表示装置の開発が進められており、透過型液晶表示装置にくらべ約１
／７と大幅な消費電力の低減が可能であることが発表されている（日経マイクロデバイス
別冊フラットパネル・ディスプレイ１９９８、Ｐ．１２６）。　反射型液晶表示装置は、
透過型液晶表示装置に比べ低消費電力であり、屋外での視認性に優れるという利点はある
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（Ｃ）反射用領域の透明樹脂層上に塗布された最上層以外の着色層を過現像条件によ
って除去する工程
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ものの、十分な環境光強度が確保されない場所では表示が暗くなってしまい、視認性が極
端に悪くなるという問題点がある。暗い環境下でも表示が視認されるようにするために、
（１）バックライトを設け、反射膜の一部に切り欠きを入れ、一部が透過型表示方式、一
部を反射型表示方式とした液晶表示装置、半透過半反射型表示方式（いわゆる半透過型表
示方式）、文献としては例えばファインプロセステクノロジージャパン’９９、専門技術
セミナーテキストＡ５）、（２）フロントライトを設けた液晶表示装置などが考案されて
いる。
【０００３】
バックライトを設けた半透過型液晶表示装置では、バックライト光を利用する透過表示と
環境光を利用する反射表示が１画素内に共存するため、環境光強度によらず、視認性のよ
い表示を行うことが出来る。しかし、図４に示すような従来の構成のカラーフィルター、
すなわち、反射用領域と透過用領域が特別には設けられていない、１画素内での着色が均
一なカラーフィルターを用いた場合には、鮮やかな透過表示を得ようとすると問題点が生
じていた。具体的には透過色の色鮮やかさ（色純度）を向上させると、反射色もそれに伴
いさらに色純度が高くなり、色純度とトレードオフの関係にある明るさが極端に低下し、
十分な視認性が得られないというものである。この問題点は、透過表示を行うときにはバ
ックライト光がカラーフィルターを１回透過するのに対して、反射表示では、環境光が入
射時と反射時の２回カラーフィルターを透過することに起因する。また、半透過型液晶表
示装置では透過表示での光源がバックライト光である一方、反射表示での光源が環境光で
あるために、色純度だけでなく色調も変化してしまうという問題点もある。これは、環境
光がＤ６５光源に代表されるような連続的なスペクトルを持つのに対して、バックライト
光源がある特性の波長にスペクトルのピークをもつという光源のスペクトル特性の違いに
起因する。
【０００４】
そこで、透過用領域と反射用領域の表示色を同一にする（色純度、明るさ、色調を同一に
する）方法として、反射用領域にスペーサー部を形成して、透過用領域と反射用領域で着
色層の膜厚を変えることが記載されている（例えば、特許文献１参照）。図５は、従来知
られている膜厚調整方式の半透過型液晶表示装置用カラーフィルターの断面図を模式的に
示したものである。反射用領域６には透明樹脂層３が形成され、反射用領域６の着色層５
の膜厚は、透過用領域７の着色層５の膜厚に比べて、薄くなっている。しかし、反射用領
域６の着色層膜厚を薄く変えただけでは、色純度、明るさは大きな違いをなくすことがで
きるものの赤、緑、青それぞれ単色の反射表示の色調は透過表示での色調と異なってしま
い、反射と透過における見え方に違和感があるという問題点があった。
【０００５】
また、透過用領域と反射用領域の表示色を同一にする別の方法としては、図６に示すよう
な透過用領域および／または反射用領域をバックライト光と環境光を考慮した適切な複数
の色材料で塗り分けることが考えられる。透過用領域および／または反射用領域用領域を
塗り分ける方法では、透過用領域と反射用領域の色調を同じにして色純度、明るさを変え
、目的にあった透過表示色と反射表示色を達成することができると考えられるが、現在主
流のフォトリソ法では、一色の画素を形成するのに二度以上色材料を塗布しフォトリソ加
工することになり、赤、緑、青の三色の画素を形成するには各色２回、すなわち計６回の
フォトリソ加工が必要となり、製造コストが増大してしまうという問題点があった。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００１－３３７７８号公報（第３～４頁、第２図、第８図）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、かかる従来技術の欠点に鑑み創案されたもので、半透過型液晶表示装置用の反
射表示と透過表示での色純度、輝度（明るさ）、色調の差を少なくすることが可能であっ
て、反射用領域と透過用領域の色調整が容易なカラーフィルターを製造工程増加を抑えて
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安価に提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明者らは、従来技術の課題を解決するために鋭意検討した結果、以下のカラーフィ
ルターによって半透過型液晶表示装置の反射表示と透過表示での色純度、輝度（明るさ）
、色調の差を少なくすることが可能であって、反射用領域と透過用領域の色調整が容易な
カラーフィルターを工程増加を抑えて低コストで製造可能であることを見いだした。すな
わち、
（１）　一画素中に透過用領域と反射用領域を含み、複数色の画素が配されたカラーフィ
ルターであって、少なくとも１色の画素については複数の着色層が積層され、かつ、最上
層が感光性カラーレジストからなる構造を有し、かつ、反射用領域において基板と着色層
の間に膜厚が１～５μｍの透明樹脂層を有し、透過用領域の最上層の着色層膜厚が反射用
領域の最上層の着色層膜厚より大き

ことを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルター。
（２）　複数の着色層が積層された画素において、該積層された部分における最上層の感
光性カラーレジストからなる着色層とそれ以外の着色層の着色が異なることを特徴とする
（１）に記載の液晶表示装置用カラーフィルター。
（３）　透過用領域と反射用領域を含んだ画素において、透過用領域のトータルの膜厚が
、透明樹脂層を含む反射用領域のトータルの膜厚より小さいことを特徴とする（１）また
は（２）のいずれかに記載の液晶表示装置用カラーフィルター。
（ ）　２層のうちの下層の着色層が非感光性カラーペーストからなることを特徴とする
（ ）に記載の液晶表示装置用カラーフィルター。
（ ）　非感光性カラーペーストがポリイミド樹脂を含むことを特徴とする（ ）に記載
の液晶表示装置用カラーフィルター。
（ ）　反射用領域に形成する透明樹脂層が感光性レジストからなることを特徴とする（
１）～（ のいずれかに記載の液晶表示装置用カラーフィルター。
（ ）　感光性レジストが感光性アクリルレジストからなることを特徴とする（ ）に記
載の液晶表示装置用カラーフィルター。
（ ）　反射用領域に形成する透明樹脂層が非感光性ペーストからなることを特徴とする
（１）～（ ）のいずれかに記載の液晶表示装置用カラーフィルター。
（ ）　非感光性ペーストがポリイミド樹脂を含むことを特徴とする（ ）に記載の液晶
表示装置用カラーフィルター。
（ ）　画素上にオーバーコート層を有することを特徴とする（１）～（ ）のいずれ
かに記載の液晶表示装置用カラーフィルター。
（ ）　複数色の画素を含み、画素は透過用領域と反射用領域を含むカラーフィルター
であって、下記工程をこの順に含むことを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルターの
製造方法。
　（Ａ）少なくとも１色の画素の反射用領域において、基板上に膜厚１～５μｍの透明樹
脂層を形成する工程
　（Ｂ）少なくとも１色の画素について、非感光性カラーペーストからなる着色層と感光
性 カラーレジストからなる着色層を積層して、最上層に感光性 カラーレ
ジストを有する複数の着色層が積層され、かつ透過用領域の最上層の着色層膜厚が反射用
領域の最上層の着色層膜厚より大きい構造の画素を形成する工程

（ ）　（１）～（ ）のいずれかに記載のカラーフィルターを用いたことを特徴と
する液晶表示装置。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明のカラーフィルターは一画素内に透過用領域と反射用領域を持ち半透過液晶表示装
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（Ｃ）反射用領域の透明樹脂層上に塗布された最上層以外の着色層を過現像条件によって
除去する工程
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置に好適に用いることができる。
以下、本発明の実施の形態として、透過表示と反射表示の色純度、明るさ、色調の差が少
なくなることを意図して説明する。また、本発明によればその優れた透過用領域と反射用
領域のそれぞれに対する色調整機能によって、意図的に透過表示と反射表示のそれぞれの
異なる色純度、明るさ、色調を意図して調整することができ、それらの実施例についても
説明する。
【００１０】
反射膜が形成される基板は、カラーフィルター側基板、カラーフィルターに対向する基板
のいずれでもよい。カラーフィルター側に反射膜が形成されている場合は、色材料が形成
されている画素領域の内、反射膜が形成されている領域が反射用領域となり、画素領域の
中で反射膜が形成されていない領域が透過用領域となる。反射膜がカラーフィルターに対
向する基板上に形成されている場合は、該基板の反射膜形成領域に対応するカラーフィル
ター画素領域が反射用領域となり、該基板の反射膜が形成されていない領域に対応するカ
ラーフィルター画素領域が透過用領域となる。
【００１１】
本発明の液晶表示装置においては反射表示と透過表示での色純度、明るさ、色調の差を小
さくするために少なくとも１色の画素が複数の着色層が積層された構造であること、着色
層最上層に感光性カラーレジストからなる着色層が形成されること、反射用領域において
基板と着色層の間に透明樹脂層が形成されていることが重要である。
【００１２】
複数の着色層を積層させること、ならびに積層させる着色層の着色特性を異ならせること
で、透過表示と反射表示のそれぞれで所望の色調を得ることが可能となる。また、最上層
が感光性カラーレジストであることで、下層着色層との一括パターン加工ができ、製造工
程の増加を抑えることが可能となる。パターン加工の際には、反射用領域の下層着色層の
みを現像時に溶解させ、反射用領域の着色層については最上層の感光性カラーレジストの
みとしてもよい。このような加工をすることでも、透過表示と反射表示のそれぞれで所望
の特性を得ることが可能となる。また、トータル膜厚の調整などの必要に応じて、下層の
着色層を形成する代わりに透明の樹脂層を形成してもよい。
【００１３】
基板上の反射用領域に透明樹脂層を形成すると反射用領域は透明樹脂層部分の膜厚分凸に
なり、透過用領域は反射用領域に比べて低い部分的に凸のある基板となる。凸のある基板
上に非感光性カラーペーストおよび／または感光性カラーレジストを塗布し着色層を形成
すると、透過用領域の着色層の膜厚は、非感光性カラーペーストや感光性カラーレジスト
による平坦化（レベリング）によって凸が形成されている反射用領域の膜厚に比べて厚く
なる。このように平坦化により反射用領域の着色と透過用領域の着色（同一光源（例えば
Ｃ光源）で見たときの「色の濃さ」）を変えることができる。着色塗液の平坦化（レベリ
ング）の程度は、塗液の粘度、固形分濃度により調整することが出来る。塗液の粘度が低
いとより平坦化しやすくなり、また塗液中の固形分濃度が高いとより平坦化しやすくなる
。最上層の着色層に用いる感光性カラーレジスト中の固形分濃度は１０重量％から３０重
量％であることが好ましく、下層の着色層に用いる非感光性カラーペーストおよび／また
は感光性カラーレジスト中の固形分濃度は３重量％から１５重量％であることが好ましい
。
【００１４】
着色層は最上層に感光性カラーレジストからなる着色層が形成されることが必要であるが
、感光性カラーレジストの下の非感光性カラーペーストおよび／または感光性カラーレジ
スト着色層は何層でも積層することが可能である。何層積層するかは目標の着色を達成す
るために適宜選択されるが、生産性から着色層は感光性カラーレジストと他の１層を組み
合わせた２層積層構造であることがより好ましい。
【００１５】
光源が異なるにも係わらず、透過表示と反射表示の色純度、明るさ、色調の差を少なくす
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るためには、透過用領域の着色と反射用領域の着色が異なることが好ましい。反射用領域
の着色と透過用領域の着色を変える方法として、最上層の感光性カラーレジストからなる
着色層とそれ以外の着色層の着色が異なる構成とすることができる。「着色が異なる」と
は、同一光源（例えばＣ光源）で透過用領域と反射用領域を見たときの色純度、明るさ（
透過率）、色調が異なることを指す。透過用領域と反射用領域で「着色を異ならせる」た
めにカラーフィルターの構成として利用できる因子は主に、反射用領域への透明樹脂層の
設置に基づく最上層の感光性カラーレジストおよび下層着色層の透過用領域と反射用領域
での膜厚の違いであり、この膜厚の違いはそれぞれの層（例えば最上層）の透過用領域と
反射用領域での着色（同一光源で見た時の「色の濃さ」）の違いに反映できるが、これだ
けでは不十分である。このため、最上層の感光性カラーレジストと感光性カラーレジスト
および／または非感光性カラーペーストからなる下層着色層との着色は同一ではなく目的
に応じて異なることが好ましい。
【００１６】
非感光性カラーペーストと感光性カラーレジストに含まれる着色剤または樹脂成分を変更
することおよび／または非感光性カラーペーストと感光性カラーレジストに含まれる着色
剤の種類を変更することおよび／または非感光性カラーペーストからなる着色層と感光性
カラーレジストからなる着色層の膜厚を調整することおよび／または反射領域に形成する
透明樹脂層の膜厚、面積、形状を変えることにより透過用領域と反射用領域に形成される
カラーフィルターの着色（色純度、明るさ、色調）を自由に調整するすることができるの
で、透過用領域の光源がバックライト光であり、反射用領域の光源が環境光であるという
違いがあっても、透過表示と反射表示の色純度、明るさ、色調を同一にすることができる
。
【００１７】
本発明では少なくとも一色の画素について非感光性カラーペーストおよび／または感光性
カラーレジストからなる着色層と感光性カラーレジストからなる着色層を積層させるが、
積層させる色については、特に限定はなく赤画素、緑画素、青画素のいずれでもよく、積
層させる色画素は１色でも２色でも３色でもよいが、用いるバックライト光源と環境光の
特性差を勘案し、目標の着色を達成できるように個々の積層させる色材料の着色を決める
ことが好ましい。
【００１８】
好ましい画素の着色設計には、光源の違いを考慮に入れるため、透過用領域はバックライ
トに用いられる光源としてＣ光源、２波長型光源、３波長型光源の内のいずれか、反射用
領域は環境光としての太陽光（自然光）に近いＤ６５光源で行うことが好ましい。ここで
いう２波長型のＬＥＤ光源の例としては、青色ＬＥＤと黄色蛍光体または黄緑色蛍光体と
を組み合わせて白色光を発するＬＥＤ光源があげられる。また、３波長型光源の例として
は、３波長冷陰極管、紫外ＬＥＤと赤、青、緑蛍光体とを組み合わせた白色ＬＥＤ光源、
赤、青、緑各色のＬＥＤを組み合わせた白色ＬＥＤ光源、青色ＬＥＤと赤色蛍光体ならび
に緑色蛍光体とを組み合わせた白色ＬＥＤ光源、有機エレクトロルミネッセンス光源など
があげられる。
【００１９】
透明樹脂層とは具体的には可視光領域の平均透過率が８０％以上である樹脂層である。反
射用領域に形成される透明樹脂層の膜厚は、光源の違いを勘案したうえで反射用領域と透
過用領域の色純度、明るさ、色調の差が小さくなるように選択させる。透明樹脂の膜厚が
大きいほど、平坦化により反射用領域と透過用領域に形成される着色層の膜厚差が大きく
なり、透過用領域と反射用領域の色純度、明るさ、色調の差を小さくする効果が大きい。
透明樹脂層の膜厚があまり大きくなるとカラーフィルター表面の段差が大きくなり、液晶
配向に悪影響を及ぼし表示品位が悪化するので透明樹脂層の膜厚は５μｍ以下が好ましい
。
【００２０】
透明樹脂層は感光性レジストを使用して形成することができる。感光性樹脂材料としては
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ポリイミド系樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリエステル系
樹脂、ポリオレフィン系樹脂等の材料が使用でき、アクリル系樹脂が好ましく用いられる
。感光性アクリル系樹脂としては、感光性を持たせるため、少なくともアクリル系ポリマ
ー、アクリル系多官能モノマーあるいはオリゴマー、光重合開始剤を含有させた構成を有
するのが一般的であるがエポキシモノマーを加えたいわゆるアクリルエポキシ樹脂として
もよい。透明樹脂層を感光性レジストで形成した場合は、フォトリソ加工の露光工程で、
露光マスクと透明樹脂層を形成する基板の距離を変えることで透明樹脂層の表面の丸みや
平坦性を制御することが可能である。
【００２１】
透明樹脂層は非感光性ペーストを使用しても形成することができる。非感光性樹脂材料と
してはポリイミド系樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリエス
テル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂等の材料が使用でき、ポリイミド系樹脂が好ましく用
いられる。透明樹脂層を非感光性ペーストで形成した場合は、透明樹脂層の上部表面が平
坦な構造になり、より小さな面積の透明樹脂層を形成することが可能である。
【００２２】
反射用領域に形成する透明樹脂層には光散乱のための粒子を含んでもよい。透明樹脂層に
光拡散の粒子を含むことで、正反射成分による表示のギラツキを押さえ、良好な表示特性
を得ることができ、かつ透過用領域には透明樹脂層は存在しないので光散乱せずに効率的
にバックライトを使用することができる。光散乱のための粒子としてはシリカ、アルミナ
、チタニアなどの無機酸化物粒子、金属粒子、アクリル、スチレン、シリコーン、フッ素
含有ポリマーなどの樹脂粒子などの材料を使用することができ、シリカ粒子を用いること
が好ましい。光散乱粒子の粒径としては０．１～１０μｍの範囲で用いることができる。
光拡散の粒子径が透明樹脂層の厚み以下である場合は透明樹脂層が平坦になるのでより好
ましい。
【００２３】
本発明で使用する色材料は、着色成分と樹脂成分を含むペーストである。樹脂成分として
は、ポリイミド系樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリエステ
ル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂等の材料が好ましく用いられる。感光性、非感光性のど
ちらの材料でも使用することが可能である。
【００２４】
感光性カラーレジストは、着色成分と樹脂成分を含み、樹脂成分は光によって反応する感
光成分を含む。光照射された樹脂が現像液への溶解速度のあがるポジ型と、光照射された
樹脂が現像液への溶解速度の下がるネガ型があり、どちらも使用することが可能であるが
、可視光で感光成分の透明性の高いネガ型樹脂が好ましく用いられる。感光性カラーレジ
ストの樹脂成分としてはポリイミド系樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ウレタン
系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂等の材料が好ましく用いられる。
【００２５】
非感光性カラーペーストに使用する樹脂成分の例としてポリイミド系樹脂について述べる
。ポリイミド系樹脂としてはポリイミド前駆体であるポリアミック酸を、加熱又は適当な
触媒によってイミド化したものが好適に用いられる。ポリアミック酸は、テトラカルボン
酸二無水物とジアミンを反応させることにより得ることができる。
【００２６】
本発明におけるポリアミック酸の合成には、テトラカルボン酸二無水物として、たとえば
、脂肪族系または脂環式系のものを用いることができ、その具体的な例として、１，２，
３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、１，２，３，４－シクロペンタンテト
ラカルボン酸二無水物、１，２，３，５－シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、１
，２，４，５－ビシクロヘキセンテトラカルボン酸二無水物、１，２，４，５－シクロヘ
キサンテトラカルボン酸二無水物、１，３，３ａ，４，５，９ｂ－ヘキサヒドロ－５－（
テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル）－ナフト［１，２－Ｃ］フラン－１，
３－ジオンなどが挙げられる。また、芳香族系のものを用いると、耐熱性の良好な膜に変
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換しうるポリアミック酸を得ることができ、その具体的な例として、３，３´，４，４´
－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、ピロメリット酸二無水物、３，４，９，１
０－ペリレンテトラカルボン酸二無水物、３，３´，４，４´－ジフェニルスルホンテト
ラカルボン酸二無水物、４，４´－オキシジフタル酸無水物、３，３´，４，４´－ビフ
ェニルテトラカルボン酸二無水物、１，２，５，６－ナフタレンテトラカルボン酸二無水
物、３，３”，４，４”－パラターフェニルテトラカルボン酸二無水物、３，３”，４，
４”－メタターフェニルテトラカルボン酸二無水物が挙げられる。また、フッ素系のもの
を用いると、短波長領域での透明性が良好な膜に変換しうるポリアミック酸を得ることが
でき、その具体的な例として、４，４´－（ヘキサフルオロイソプロピリデン）ジフタル
酸無水物などが挙げられる。なお、本発明は、これらに限定されずにテトラカルボン酸二
無水物が１種または２種以上用いられる。
【００２７】
また、本発明におけるポリアミック酸の合成には、ジアミンとして、たとえば、脂肪族系
または脂環式系のものを用いることができ、その具体的な例として、エチレンジアミン、
１，３－ジアミノシクロヘキサン、１，４－ジアミノシクロヘキサン、４，４´－ジアミ
ノ－３，３´－ジメチルジシクロヘキシルメタン、４，４´－ジアミノ－３，３´－ジメ
チルジシクロヘキシルなどが挙げられる。また、芳香族系のものを用いると、耐熱性の良
好な膜に変換しうるポリアミック酸を得ることができ、その具体的な例として、４，４´
－ジアミノジフェニルエーテル、３，４´－ジアミノジフェニルエーテル、４，４´－ジ
アミノジフェニルメタン、３，３´－ジアミノジフェニルメタン、４，４´－ジアミノジ
フェニルスルホン、３，３´－ジアミノジフェニルスルホン、４，４´－ジアミノジフェ
ニルサルファイド、ｍ－フェニレンジアミン、ｐ－フェニレンジアミン、２，４－ジアミ
ノトルエン、２，５－ジアミノトルエン、２，６－ジアミノトルエン、ベンジジン、３，
３´－ジメチルベンジジン、３，３´－ジメトキシベンジジン、ｏ－トリジン、４，４”
－ジアミノターフェニル、１，５－ジアミノナフタレン、３，３´－ジメチル－４，４´
－ジアミノジフェニルメタン、４，４´－ビス（４－アミノフェノキシ）ビフェニル、２
，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、ビス［４－（４－アミ
ノフェノキシ）フェニル］エ－テル、ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］ス
ルホン、ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］スルホンなどが挙げられる。ま
た、フッ素系のものを用いると、短波長領域での透明性が良好な膜に変換しうるポリアミ
ック酸を得ることができ、その具体的な例として、２，２－ビス［４－（４－アミノフェ
ノキシ）フェニル］ヘキサフルオロプロパンなどが挙げられる。
【００２８】
また、ジアミンの一部として、シロキサンジアミンを用いると、無機基板との接着性を良
好にすることができる。シロキサンジアミンは、通常、全ジアミン中の１～２０モル％量
用いる。シロキサンジアミンの量が少なすぎれば接着性向上効果が発揮されず、多すぎれ
ば耐熱性が低下する。シロキサンジアミンの具体例としては、ビス－３－（アミノプロピ
ル）テトラメチルシロキサンなどが挙げられる。本発明は、これに限定されずにジアミン
が１種または２種以上用いられる。
【００２９】
ポリアミック酸の合成は、極性有機溶媒中でテトラカルボン酸二無水物とジアミンを混合
して反応させることにより行うのが一般的である。この時、ジアミンとテトラカルボン酸
二無水物の混合比により、得られるポリアミック酸の重合度を調節することができる。　
このほか、テトラカルボン酸ジクロライドとジアミンを極性有機溶媒中で反応させて、そ
の後、塩酸と溶媒を除去することによってポリアミック酸を得るなど、ポリアミック酸を
得るには種々の方法がある。しかし、本発明はその合成法によらずにポリアミック酸に対
して適用が可能である。
【００３０】
次に、本発明で使用する非感光性カラーペーストに使用するポリアミック酸の構造単位の
繰り返し数について述べる。ポリイミド膜の力学的特性は、分子量が大きいほど良好であ
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るため、ポリイミド前駆体であるポリアミック酸の分子量も大きいことが望まれる。一方
、ポリアミック酸膜を湿式エッチングによりパターン加工を行う場合、ポリアミック酸の
分子量が大きすぎると、現像に要する時間が長くなりすぎるという問題がある。したがっ
て、構造単位の繰り返し数の好ましい範囲は１５～１０００、より好ましくは１８～４０
０、さらに好ましくは２０～１００である。なお、ポリアミック酸の分子量には一般にば
らつきがあるため、ここでいう構造単位の繰り返し数の好ましい範囲とは、この範囲の中
に全ポリアミック酸の５０モル％以上、好ましくは７０モル％以上、さらに好ましくは９
０モル％以上が入っていることを意味する。
【００３１】
感光性カラーレジストに使用する樹脂成分の例として、アクリル系樹脂について述べる。
感光性アクリル系樹脂としては、感光性を持たせるため、少なくともアクリル系ポリマー
、アクリル系多官能モノマーあるいはオリゴマー、光重合開始剤を含有させた構成を有す
るのが一般的である。さらにエポキシを加えた、いわゆるアクリルエポキシ樹脂も用いる
ことができる。
【００３２】
使用できるアクリル系ポリマーとしては、特に限定はないが、不飽和カルボン酸とエチレ
ン性不飽和化合物の共重合体を好ましく用いることができる。不飽和カルボン酸の例とし
ては、例えばアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル
酸、ビニル酢酸、あるいは酸無水物などがあげられる。
【００３３】
これらは単独で用いても良いが、他の共重合可能なエチレン性不飽和化合物と組み合わせ
て用いても良い。共重合可能なエチレン性不飽和化合物としては、具体的には、アクリル
酸メチル、メタクリル酸メチル、アクリル酸エチル、メタクリル酸エチル、アクリル酸ｎ
－プロピル、アクリル酸イソプロピル、メタクリル酸ｎープロピル、メタクリル酸イソプ
ロピル、アクリル酸ｎ－ブチル、メタクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸ｓｅｃ－ブチル、
メタクリル酸ｓｅｃ－ブチル、アクリル酸イソ－ブチル、メタクリル酸イソ－ブチル、ア
クリル酸ｔｅｒｔ－ブチル、メタクリル酸ｔｅｒｔ－ブチル、アクリル酸ｎ－ペンチル、
メタクリル酸ｎ－ペンチル、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチル
メタクリレート、ベンジルアクリレート、ベンジルメタクリレートなどの不飽和カルボン
酸アルキルエステル、スチレン、ｐ－メチルスチレン、ｏ－メチルスチレン、ｍ－メチル
スチレン、α－メチルスチレンなどの芳香族ビニル化合物、アミノエチルアクリレートな
どの不飽和カルボン酸アミノアルキルエステル、グリシジルアクリレート、グリシジルメ
タクリレートなどの不飽和カルボン酸グリシジルエステル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビ
ニルなどのカルボン酸ビニルエステル、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、α－ク
ロルアクリロニトリルなどのシアン化ビニル化合物、１，３－ブタジエン、イソプレンな
どの脂肪族共役ジエン、それぞれ末端にアクリロイル基、あるいはメタクリロイル基を有
するポリスチレン、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルア
クリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリシリコーンなどのマクロモノマーなどがあ
げられるが、これらに限定されるものではない。
【００３４】
また、側鎖にエチレン性不飽和基を付加したアクリル系ポリマーを用いると、加工の際の
感度がよくなるので好ましく用いることができる。エチレン性不飽和基としては、ビニル
基、アリル基、アクリル基、メタクリル基のようなものがある。このような側鎖をアクリ
ル系（共）重合体に付加させる方法としては、アクリル系（共）重合体のカルボキシル基
や水酸基などを有する場合には、これらにグリシジル基を有するエチレン性不飽和化合物
やアクリル酸またはメタクリル酸クロライドを付加反応させる方法が一般的である。その
他、イソシアネートを利用してエチレン性不飽和基を有する化合物を付加させることもで
きる。ここでいうグリシジル基を有するエチレン性不飽和化合物やアクリル酸またはメタ
クリル酸クロライドとしては、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル、α－エ
チルアクリル酸グリシジル、クロトニルグリシジルエーテル、クロトン酸グリシジルエー
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テル、イソクロトン酸グリシジルエーテル、アクリル酸クロライド、メタクリル酸クロラ
イドなどがあげられる。
【００３５】
多官能モノマーとしては、例えば、ビスフェノールＡジグリシジルエーテル（メタ）アク
リレート、ポリ（メタ）アクリレートカルバメート、変性ビスフェノールＡエポキシ（メ
タ）アクリレート、アジピン酸１，６－ヘキサンジオール（メタ）アクリル酸エステル、
無水フタル酸プロピレンオキサイド（メタ）アクリル酸エステル、トリメリット酸ジエチ
レングリコール（メタ）アクリル酸エステル、ロジン変性エポキシジ（メタ）アクリレー
ト、アルキッド変性（メタ）アクリレートのようなオリゴマー、あるいはトリプロピレン
グリコールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート
、ビスフェノールＡジグリシジルエーテルジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロ
パントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、トリ
アクリルホルマール、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリ
スリトールヘキサ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリ
レートなどがあげられる。これらは単独または混合して用いることができる。また、次に
あげるような単官能モノマーも併用することができ、例えば、エチル（メタ）アクリレー
ト、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート
、ｎ－ブチルメタクリレート、グリシジルメタクリレート、ラウリル（メタ）アクリレー
ト、ステアリル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレートなどがあり、
これらの２種以上の混合物、あるいはその他の化合物との混合物などが用いられる。これ
らの多官能及び単官能モノマーやオリゴマーの選択と組み合わせにより、ペーストの感度
や加工性の特性をコントロールすることが可能である。特に、硬度を高くするにはアクリ
レート化合物よりメタクリレート化合物が好ましく、また、感度を上げるためには、官能
基が３以上ある化合物が好ましい。また、メラミン類、グアナミン類などもアクリル系モ
ノマーの代わりに好ましく用いることができる。
【００３６】
光重合開始剤としては、特に限定はなく、公知のものが使用でき、例えば、ベンゾフェノ
ン、Ｎ，Ｎ’－テトラエチル－４，４’－ジアミノベンゾフェノン、４－メトキシ－４’
－ジメチルアミノベンゾフェノン、２，２－ジエトキシアセトフェノン、ベンゾイン、ベ
ンゾインメチルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンジルジメチルケタール、
α－ヒドロキシイソブチルフェノン、チオキサントン、２－クロロチオキサントン、１－
ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－メチル－１－ [４－（メチルチオ）フェ
ニル ]－２－モルホリノ－１－プロパン、ｔ－ブチルアントラキノン、１－クロロアント
ラキノン、２，３－ジクロロアントラキノン、３－クロル－２－メチルアントラキノン、
２－エチルアントラキノン、１，４－ナフトキノン、９，１０－フェナントラキノン、１
，２－ベンゾアントラキノン、１，４－ジメチルアントラキノン、２－フェニルアントラ
キノン、２－（ｏ－クロロフェニル）－４，５－ジフェニルイミダゾール２量体などがあ
げられる。また、その他のアセトフェノン系化合物、イミダゾール系化合物、ベンゾフェ
ノン系化合物、チオキサントン系化合物、リン系化合物、トリアジン系化合物、あるいは
チタネート等の無機系光重合開始剤なども好ましく用いることができる。また、ｐ－ジメ
チルアミノ安息香酸エステルなどの増感助剤を添加すると、さらに感度を向上させること
ができ好ましい。また、これらの光重合開始剤は２種類以上を併用して用いることもでき
る。
【００３７】
光重合開始剤の添加量としては、特に限定はないが、ペースト全固形分に対して、好まし
くは１～３０ｗｔ％、より好ましくは５～２５ｗｔ％、さらに好ましくは１０～２０ｗｔ
％である。
本発明で用いる溶媒としては、樹脂成分を容易に溶解するものを使用することができる。
【００３８】
非感光性樹脂であるポリアミック酸の例では、溶解する溶媒として、例えばＮ―メチル―
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２―ピロリドン、Ｎ，Ｎ―ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ―ジメチルホルムアミドなどの
アミド系極性溶媒、β―プロピオラクトン、γ―ブチロラクトン、γ―バレロラクトン、
δ―バレロラクトン、γ―カプロラクトン、ε―カプロラクトンなどのラクトン類などが
挙げられる。また、感光性樹脂であるアクリル系樹脂の例では、これらに加え、例えばメ
チルセロソルブ、エチルセロソルブ、メチルカルビトール、エチルカルビトール、プロピ
レングリコールモノエチルエーテルなどのエチレングリコールあるいはプロピレングリコ
ール誘導体、あるいは、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、アセト酢
酸エチル、メチル―３―メトキシプロピオネート、３―メチル―３―メトキシブチルアセ
テートなどの脂肪族エステル類、あるいは、エタノール、３―メチル―３―メトキシブタ
ノールなどの脂肪族アルコール類、シクロペンタノン、シクロヘキサノンなどのケトン類
を用いることも可能である。
【００３９】
本発明に用いるカラーペースト用溶媒としては使用樹脂を溶解する単独あるいは２種類以
上の溶媒の混合溶媒を、適宜組み合わせて使用するのが好ましい。この場合は、副溶剤と
して、使用する樹脂に対する貧溶媒を用いることも可能である。好ましい溶媒としては、
特に限定されるわけではないが、例えばＮ－メチルピロリドンとシクロペンタノンの混合
溶媒などがあげられ、特にアクリル系樹脂の場合には、シクロペンタノン単独でも好まし
く用いることができる。
【００４０】
本発明のカラーぺーストにおいて、ポリアミック酸あるいはアクリル系樹脂といった樹脂
成分と、着色剤とは、通常、重量比で１：９～９：１、好ましくは２：８～８：２、より
好ましくは３：７～７：３の範囲で混合して用いられる。樹脂成分の量が少なすぎると、
着色被膜の基板との接着性が不良となり、逆に顔料の量が少なすぎると着色度が問題とな
る。また、該ペーストにおいては、塗工性、乾燥性などの観点から、樹脂成分と顔料をあ
わせた固形分濃度は、２～４０％、好ましくは３～３０％、さらに好ましくは５～２５％
の範囲で使用する。
【００４１】
本発明のカラーフィルターは、少なくとも赤、緑、青の３色の色画素から構成され、使用
される着色材料は、有機顔料、無機顔料、染料問わず着色剤全般を使用することができる
。代表的な顔料の例として、ピグメントレッド（ＰＲ－）、２、３、２２、３８、１４９
，１６６、１６８、１７７，２０６、２０７、２０９、２２４、２４２，２５４、ピグメ
ントオレンジ（ＰＯ－）５、１３、１７、３１、３６、３８、４０、４２、４３、５１、
５５、５９、６１、６４、６５、７１、ピグメントイエロー（ＰＹ－）１２、１３、１４
、１７、２０、２４、８３、８６、９３、９４、１０９、１１０、１１７、１２５、１３
７、１３８、１３９、１４７、１４８、１５０，１５３、１５４、１６６、１７３、１８
５、ピグメントブルー（ＰＢ－）１５（１５：１、１５：２、１５：３、１５：４、１５
：６）、２１、２２、６０、６４、ピグメントバイオレット（ＰＶ－）１９、２３、２９
、３２、３３、３６、３７、３８、４０、５０などが挙げられる。本発明ではこれらに限
定されずに種々の顔料を使用することができる。
【００４２】
上記顔料は必要に応じて、ロジン処理、酸性基処理、塩基性処理、顔料誘導体処理などの
表面処理が施されているものを使用しても良い。　なお、ＰＲ（ピグメントレッド）、Ｐ
Ｙ（ピグメントイエロー）、ＰＶ（ピグメントバイオレット）、ＰＯ（ピグメントオレン
ジ）等は、カラーインデックス（Ｃ．Ｉ．； The Society of Dyers and Colourists社発
行）の記号であり、正式には頭にＣ．Ｉ．を付するもの（例えば、Ｃ．Ｉ．ＰＲ２５４な
ど）である。これは染料や染色の標準を規定したものであり、それぞれの記号は特定の標
準となる染料とその色を指定するものもである。なお、以下の本発明の説明においては、
原則として、前記Ｃ．Ｉ．の表記は省略（例えば、Ｃ．Ｉ．ＰＲ２５４ならば、ＰＲ２５
４）する。
【００４３】
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本発明のカラーフィルターの赤画素用着色剤においては、ＰＲ２４２、ＰＲ２５４、キナ
クリドン骨格を持つ顔料、ＰＯ３８、ＰＹ１７、ＰＹ１３８、ＰＹ１５０を使用すること
がより好ましい。本発明におけるキナクリドン骨格とは、以下の構造式（１）にて示され
る化合物である。
【００４４】
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４５】
〔構造式（１）において、Ｒ１～Ｒ８はそれぞれ独立に水素原子、メチル基等のアルキル
基、または塩素原子等のハロゲン原子を示す。〕中でも、ＰＲ１２２（構造式（１）中、
Ｒ３、Ｒ６がメチル基、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ７、Ｒ８が水素原子、構造式（２）
参照）、ＰＶ１９（構造式（１）中、Ｒ１～Ｒ８はすべて水素原子、構造式（３）参照）
又は、ＰＲ２０９（構造式（１）中、Ｒ３、Ｒ６が塩素原子で、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５
、Ｒ７、Ｒ８が水素原子、構造式（４）参照）が特に好ましい。
【００４６】
【化２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４７】
【化３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４８】
【化４】
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【００４９】
本発明のカラーフィルターの緑画素用着色剤においては、ＰＧ７、ＰＧ３６、ＰＹ１７、
ＰＹ１３８、ＰＹ１５０を使用することがより好ましい。また、青画素用着色剤としては
ＰＢ１５（１５：１、１５：２、１５：３、１５：４、１５：６）、６０、ＰＶ１９、２
３を使用することがより好ましい。
【００５０】
本発明のカラーフィルターでは非感光性カラーペーストに含まれる着色剤は、感光性カラ
ーレジストに含まれる着色剤と同じでも良く、異なっていても良く、どちらか一方が染料
で他方が顔料であっても良く、独立に調製することができる。　また、１色あたり２種類
以上の着色剤を用いて、色度を調整することがあるが、非感光性カラーペーストと感光性
カラーレジストに含まれる着色剤は、着色剤数、着色剤種類、着色剤組成、着色剤濃度は
独立に調製することが可能である。
【００５１】
光源が異なるにも係わらず、透過表示と反射表示の色純度、明るさ、色調の差を少なくす
るためには、透過用領域の着色と反射用領域の着色が異なることが好ましい。「着色が異
なる」とは、同一光源（例えばＣ光源）で透過用領域と反射用領域を見たときの色純度、
明るさ（透過率）、色調が異なることを指す。透過用領域と反射用領域で「着色を異なら
せる」ためにカラーフィルターの構成として利用できる因子は主に、反射用領域への透明
樹脂層の設置に基づく最上層の感光性カラーレジストおよび下層着色層の透過用領域と反
射用領域での膜厚の違いであり、この膜厚の違いはそれぞれの層（例えば最上層）の透過
用領域と反射用領域での着色（同一光源で見た時の「色の濃さ」）の違いに反映できるが
、これだけでは不十分である。このため、最上層の感光性カラーレジストと非感光性カラ
ーペーストおよび／または感光性カラーレジストからなる下層着色層との着色は同一では
なく目的に応じて異なることが好ましい。着色を異ならせる方法としては、上記すなわち
使用する着色剤数、着色剤種類、着色剤組成、着色剤濃度を異ならせることで達成するこ
とができる。勿論、使用される着色剤が同じであっても組成を変えれば達成される色度を
異ならせることができる。あるいは、最上層に主顔料と副顔料の両者を使用した調色され
た着色とし、下層着色層には主顔料あるいは副顔料のみを使用する、あるいは、最上層と
下層着色層で主顔料の種類を変えるなどが可能である。
【００５２】
画素に含まれる着色剤の例を記載するが、この組み合わせに限定されるものではない。赤
画素の例として、透明樹脂層形成後に塗布する非感光性カラーペーストの着色剤にはＰＲ
２０９とＰＯ３８を６０対４０（重量比）で使用し、感光性カラーレジストの着色剤には
ＰＲ１７７を使用し、透過用領域と反射用領域のそれぞれの膜厚を調整することで、透過
用領域と反射用領域の色純度、明るさ、色調の差を小さくすることができる。赤画素と同
様に緑画素の例として透明樹脂層形成後に塗布する非感光性カラーペーストの着色剤には
ＰＹ１３８を使用し、感光性カラーレジストの着色剤にはＰＧ３６とＰＹ１３８を７５対
２５（重量比）で使用することができる。赤画素と同様に青画素の例として透明樹脂層形
成後に塗布するカラーペーストの着色剤にはＰＢ１５：６とＰＶ２３を９３対７（重量比
）で使用し、感光性カラーレジストの着色剤にはＰＢ１５：６を使用することができる。
【００５３】
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非感光性カラーペーストまたは感光性カラーレジストを塗布する方法としては、ディップ
法、ロールコーター法、スピンコーティング法、ダイコーティング法、ダイコーティング
とスピンコーティング併用法、ワイヤーバーコーティング法などが好適に用いられる。
【００５４】
非感光性ペーストを用いて透明樹脂層を形成する例としては、透明基板上に非感光性ペー
ストを塗布し、ホットプレート、オーブン、真空乾燥などを用いて加熱乾燥（セミキュア
）する。セミキュア膜上にポジ型フォトレジストを塗布し、加熱乾燥（プリベーク）する
。プリベーク後にマスク露光し、アルカリ現像し、フォトレジストを溶剤で剥離すること
で透明樹脂層を形成し加熱硬化させる。
【００５５】
感光性レジストを用いて透明樹脂層を形成する方法としては、透明基板上に感光性レジス
トを塗布し、ホットプレート、オーブン、真空乾燥を用いて加熱乾燥（プリベーク）する
。プリベーク後にマスク露光し、アルカリ現像し、後に加熱硬化することで、透明樹脂層
を得る。形成する透明樹脂層の膜厚が厚すぎると透明基板全体に均一な膜厚と形状で形成
することが困難になるので、透明樹脂層の膜厚は５μｍ以下が好ましい。
【００５６】
画素を形成する方法としては、画素の反射用領域に透明樹脂層が形成された透明基板上に
、たとえば非感光性カラーペーストを塗布、ホットプレート、オーブン、真空乾燥を用い
て加熱乾燥（セミキュア）する。このセミキュア膜上に感光性カラーレジストを塗布し、
加熱乾燥（プリベーク）する。プリベーク後にマスク露光し、アルカリ現像し、加熱硬化
させるフォトリソ工程で非感光性カラーペースト層と感光性カラーレジスト層とを同時に
パターニングでき、積層構成でありながら１回のフォトリソ加工で１色の画素を形成する
ことができる。
【００５７】
非感光性カラーペーストからなる未硬化の複数の着色層からなる着色層上に未硬化の感光
性カラーレジストからなる着色層を積層して、露光、現像を行いフォトリソ加工すること
で感光性カラーレジストと未硬化の着色層を同時に加工することができるので生産性が向
上して好ましい。非感光性カラーペーストは通常ポジ型フォトレジストを積層し、フォト
リソ加工し、フォトレジストを剥離する工程が必要であるが、本発明の最上層に感光性カ
ラーレジストを積層する場合は感光性カラーレジストは着色層なので、フォトリソ加工後
に感光性樹脂を剥離することなく、カラーフィルターを作製することが可能であり、フォ
トレジスト剥離工程が短縮できるので好ましい。
【００５８】
画素を単層膜で形成する場合は目標色度ごとに着色剤組成を最適化する必要があるが、こ
の方法では透過用領域と反射用領域を別々に形成しなければならないので赤、緑、青の３
色の画素が必要な場合には６回のフォトリソ加工が必要である。
一方、本発明ではすくなくとも１色の画素が複数の着色層が積層された構造であること、
着色層最上層に感光性カラーレジストからなる着色層が形成されること、反射用領域にお
いて基板と着色層の間に透明樹脂層が形成されていることにより、赤、緑、青の３色の画
素が必要な場合には従来６回のフォトリソ加工工程で達成される透過用領域と反射用領域
の目標の色純度、明るさ、色調を４回のフォトリソ加工工程で達成することができる。
【００５９】
本発明においては、反射用領域への透明樹脂層の形成、ならびに着色塗液の平坦化（レベ
リング）によって、着色層膜厚を変えているが、別の方法によってもよい。例えば、感光
性カラーレジストからなる着色層はフォトリソ加工におけるマスク露光の露光量により硬
化する膜厚を変えることができる。感光性アクリルカラーレジストの場合について述べる
が、本発明の感光性カラーレジストはこれに限定されない。感光性カラーレジストをフォ
トリソ加工する場合には、露光量が十分多いと感光性カラーレジストの光架橋が進み、露
光された部分は現像液にほとんど溶解されない（いわゆる「膜べり」 (膜厚方向にも現像
が進んで膜厚が減少する）も起こらない）。未露光部分はアクリル樹脂の光架橋が進まな
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いので、現像液に溶解する。露光はするが、露光量が感光性樹脂の硬化に十分でない場合
はアクリル樹脂の光架橋が十分進まないので、露光された部分は現像液に一部の塗膜が溶
解するいわゆる「膜べり」が起こるので、露光量によって感光性樹脂の膜厚を調整するこ
とも可能である。
【００６０】
露光量を調節する方法としては半透過フォトマスクを使用する方法や、スリットまたは網
点フォトマスクを使用する方法がある。半透過フォトマスクはフォトマスクに０より大き
く１００％未満の透過率の半透過領域を持つ。この半透過フォトマスクを使用することで
、露光量が多い部分と少ない部分で膜厚を調整する方法である。スリットフォトマスクは
フォトマスクの遮光部分に２０μｍ以下の幅でスリットを形成し、単位面積あたりでスリ
ットを通過した露光量を平均化して露光量を調整する方法である。網点フォトマスクはフ
ォトマスクの遮光部分に１個あたりの面積４００μｍ 2以下の円形、楕円形、四角形、長
方形、菱形、台形、などを１個以上形成し、単位面積あたりでスリットを通過した露光量
を平均化して露光量を調整する方法である。感光性カラーレジストを露光する場合、光源
にｇ線、ｈ線、ｉ線の混合スペクトルを持つ高圧水銀灯を用ることが好ましい。露光量は
感光性カラーレジストの感度によるが、ｉ線で５０ｍＪ／ｃｍ 2以上が好ましい。
【００６１】
アルカリ現像液は有機アルカリ現像液と無機アルカリ現像液のどちらも用いることができ
る。無機アルカリ現像液では炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムの水溶
液などが好適に用いられる。有機アルカリ現像液ではテトラメチルアンモニウムヒドロキ
シド水溶液、メタノールアミンなどのアミン系水溶液が好適に用いられる。現像液には現
像の均一性を上げるために界面活性剤を添加することが好ましい。アルカリ現像はディッ
プ現像、シャワー現像、パドル現像などの方法が可能である。現像後はアルカリ現像液を
除去するために純水洗浄を行う。シャワー現像では最適な画素形状になるようにシャワー
圧力を調整することが好ましい。シャワー圧力が弱いと、画素の解像度が低下する。シャ
ワー圧力が強いと画素が基板から剥がれることがある。シャワーの圧力は０．０５～５Ｍ
Ｐａが好ましい。
【００６２】
透明樹脂層の形成によって、表面の平坦性が損なわれ透過用領域と反射用領域の表面段差
が生じる場合があるので、画素上に平坦化層としてオーバーコート層を形成するのが好ま
しい。具体的には、エポキシ膜、アクリルエポキシ膜、アクリル膜、シロキサンポリマ系
の膜、ポリイミド膜、ケイ素含有ポリイミド膜、ポリイミドシロキサン膜等が挙げられる
。
【００６３】
カラーフィルターの形成は、ガラス、高分子フィルム等の透明基板側に限定されず、駆動
素子側基板にも行うことができる。カラーフィルターのパターン形状については、ストラ
イプ状、アイランド状などがあげられるが特に限定されるものではない。また、必要に応
じてカラーフィルター上に柱状の固定式スペーサーが配置されていてもよい。
【００６４】
画素の形成方法については、色材料は塗布したときにその流動性を利用した「レベリング
（平坦化）」が起こるものなら何でも良い。
【００６５】
本発明のカラーフィルターは、半透過型液晶表示装置に組み込まれて使用される。ここで
、半透過型液晶表示装置とは、対向基板あるいはカラーフィルターの反射領域にはアルミ
ニウム膜や銀膜等から成る反射膜を備え、透過領域にはそのような反射膜がないことを特
徴とする液晶表示装置である。本発明のカラーフィルターは、液晶表示装置の駆動方法、
表示方式にも限定されず、アクティブマトリクス方式、パッシブマトリクス方式、ＴＮモ
ード、ＳＴＮモード、ＥＣＢモード、ＯＣＢ、ＶＡモードなど種々の液晶表示装置に適用
される。また、液晶表示装置の構成、例えば偏光板の数、散乱体の位置等にも限定されず
に使用することができる。
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【００６６】
本発明のカラーフィルター作製方法の一例を述べる。
透明基板上に少なくともポリアミック酸、黒色着色剤、溶剤からなる非感光性カラーペー
ストを透明基板上に塗布した後、風乾、加熱乾燥、真空乾燥などにより、ポリアミック酸
黒色着色被膜を形成する。加熱乾燥の場合、オーブン、ホットプレートなどを使用し、６
０～２００℃の範囲で１分～６０分行うのが好ましい。次にこのようにして得られたポリ
アミック酸黒色被膜にポジ型フォトレジストを塗布し、ホットプレートを使用して６０～
１５０℃の範囲で１～３０分加熱乾燥させる。露光装置を用いて、紫外線を照射し目的の
パターンを焼き付け、アルカリ現像して所望位置に所望パターンで樹脂ブラックマトリク
ス層を得る。樹脂ブラックマトリクス層は２００～３００℃で加熱硬化させる。
【００６７】
次にポリアミック酸と溶剤からなる非感光性ペーストをブラックマトリクスが形成された
透明基板の全面に塗布し、ホットプレートを使用し、６０～２００℃の範囲で１～６０分
間加熱乾燥する。次にこのようにして得られたポリアミック酸被膜にポジ型フォトレジス
トを塗布し、ホットプレートを使用して６０～１５０℃の範囲で１～３０分加熱乾燥させ
る。露光装置を用いて、紫外線を照射し目的のパターンを焼き付け、アルカリ現像して所
望位置に所望パターンで透明樹脂層を得る。透明樹脂層は２００～３００℃で加熱硬化さ
せる。
【００６８】
次に着色層を積層して画素を形成する。少なくともポリアミック酸、着色剤、溶剤からな
る非感光性カラーペーストを透明樹脂層を形成した透明基板上に塗布した後、風乾、加熱
乾燥、真空乾燥などにより、ポリアミック酸着色被膜を形成する。加熱乾燥の場合、オー
ブン、ホットプレートなどを使用し、６０～２００℃の範囲で１分～６０分行うのが好ま
しい。次に、このようにして得られたポリアミック酸着色被膜に、アクリル系ポリマー、
アクリル系多官能モノマー、光重合開始剤からなる感光性アクリル樹脂、着色剤、溶剤か
らなる感光性カラーレジストを塗布した後、風乾、加熱乾燥、真空乾燥などにより、感光
性アクリル着色被膜を積層形成する。加熱乾燥の場合、オーブン、ホットプレートなどを
使用し、６０～２００℃の範囲で１分～３時間行うのが好ましい。続いて感光性アクリル
着色被膜にフォトマスクと露光装置を用いて紫外線をパターン状に照射する。露光後、ア
ルカリ現像液により、感光性アクリル着色被膜とポリアミック酸着色被膜のエッチングを
同時に行う。
【００６９】
ポリアミック酸着色被膜は、その後、加熱硬化することによって、ポリイミド着色被膜に
変換される。加熱硬化は通常、空気中、窒素雰囲気中、あるいは、真空中などで、１５０
～３５０℃、好ましくは１８０～２５０℃の温度のもとで、０．５～５時間、連続的また
は段階的に行われる。
【００７０】
感光性アクリル着色層を積層しない他の色の画素がある場合は、ポリアミック酸着色被膜
を形成した後、フォトレジストを塗布し、フォトレジスト被膜を形成する。続いて該フォ
トレジスト被膜上にフォトマスクと露光装置を用いてパターン状に紫外線照射する。露光
後、アルカリ現像液により、フォトレジスト被膜とポリアミック酸被膜のエッチングを同
時に行う。エッチング後、不要となったフォトレジスト被膜を剥離し、ポリアミック酸を
加熱硬化することでポリイミド着色膜を得る。
以上の工程を赤、緑、青の画素（必要に応じてブラックマトリックス）について行うと、
液晶表示装置用カラーフィルターが作製できる。
【００７１】
次に、このカラーフィルターを用いて作成した半透過型液晶表示装置の一例について述べ
る。上記カラーフィルター上に、透明保護膜を形成し、さらにその上にＩＴＯ膜などの透
明電極を製膜する。次に、このカラーフィルター基板と、金属蒸着膜などがパターニング
された半透過反射膜、半透過反射膜上の透明絶縁膜、さらにその上にＩＴＯ膜などの透明
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電極が形成された半透過反射基板とを、さらにそれらの基板上に設けられた液晶配向のた
めのラビング処理を施した液晶配向膜、およびセルギャップ保持のためのスペーサーを介
して、対向させてシールし貼りあわせる。なお、半透過反射基板上には、反射膜、透明電
極以外に、光拡散用の突起物、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）素子や薄膜ダイオード（ＴＦ
Ｄ）素子、および走査線、信号線などを設け、ＴＦＴ液晶表示装置や、ＴＦＤ液晶表示装
置を作成することができる。次に、シール部に設けられた注入口から液晶を注入した後に
、注入口を封止する。つぎに、ＩＣドライバー等を実装することによりモジュールが完成
する。
【００７２】
【実施例】
＜測定法＞
透過率、色座標：大塚電子（株）製、“ＭＣＰＤ－２０００”顕微分光光度計を用い、カ
ラーフィルター上に製膜されているものと同一製膜条件により作製されるＩＴＯを製膜し
たガラスをリファレンスとして測定した。
【００７３】
ここでいう透過領域色度とは、上述のカラーフィルター透過用領域を顕微分光光度計など
で測定したときに得られる分光スペクトルから求められるものであり、反射領域色度とは
該領域中の着色領域の分光スペクトル、透明領域の分光スペクトルをそれぞれ各波長で自
乗し、着色領域と透明領域との面積についての加重平均を取ることにより求められるもの
である。
画素の膜厚は表面粗さ計：（株）東京精密製、“サーフコム１３０Ａ”を用いて測定した
。
【００７４】
以下、実施例に基づいて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されない。
以下の実施例では透過表示と反射表示の色純度、明るさ、色調の差が少なくなることを意
図した例を示す。また、本発明によればその優れた透過用領域と反射用領域のそれぞれに
対する色調整機能によって、意図的に透過表示と反射表示のそれぞれの異なる色純度、明
るさ、色調を調製することができるが、それらの実施例についても説明する。
【００７５】
なお、以下の実施例、比較例では、特に断りがない場合は画素開口部に対する反射板の形
成領域（反射用領域）の割合は５０％とする。また、透明樹脂層の反射用領域に対する割
合についても、特に断りがない場合は１００％とする。
【００７６】
実施例１
Ａ．ポリアミック酸溶液の作製
４，４′－ジアミノジフェニルエーテル  ９５．１ｇおよびビス (３－アミノプロピル )テ
トラメチルジシロキサン  ６．２ｇをγ－ブチロラクトン  ５２５ｇ、Ｎ－メチル－２－ピ
ロリドン  ２２０ｇと共に仕込み、３，３′，４，４′－ビフェニルテトラカルボン酸二
無水物  １４４．１ｇを添加し、７０℃で３時間反応させた後、無水フタル酸  ３．０ｇを
添加し、さらに７０℃で２時間反応させ、２５重量％のポリアミック酸溶液（ＰＡＡ）を
得た。
【００７７】
Ｂ．ポリマー分散剤の合成
４，４′－ジアミノベンズアニリド  １６１．３ｇ、３，３′－ジアミノジフェニルスル
ホン  １７６．７ｇ、およびビス (３－アミノプロピル )テトラメチルジシロキサン  １８．
６ｇをγ－ブチロラクトン  ２６６７ｇ、Ｎ－メチル－２－ピロリドン  ５２７ｇと共に仕
込み、３，３′，４，４′－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物  ４３９．１ｇを添加
し、７０℃で３時間反応させた後、無水フタル酸  ２．２ｇを添加し、さらに７０℃で２
時間反応させ、２０重量％のポリアミック酸溶液であるポリマー分散剤（ＰＤ）を得た。
【００７８】
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Ｃ．非感光性カラーペーストの作製
ピグメントレッドＰＲ２０９、３．６ｇ（８０ｗｔ％）、ピグメントオレンジＰＯ３８、
０．９ｇ（２０ｗｔ％）とポリマー分散剤（ＰＤ）  ２２．５ｇおよびγ－ブチロラクト
ン  ４２．８ｇ、３－メトキシ－３－メチル－１－ブタノール  ２０．２ｇをガラスビーズ
 ９０ｇとともに仕込み、ホモジナイザーを用い、７０００ｒｐｍで５時間分散後、ガラ
スビーズを濾過し、除去した。このようにしてＰＲ２０９とＰＯ３８からなる分散液５％
溶液（ＧＤ）を得た。
【００７９】
分散液（ＧＤ）　４５．６ｇにポリアミック酸溶液（ＰＡＡ）  １４．８８ｇをγ－ブチ
ロラクトン  ３９．５２ｇで希釈した溶液を添加混合し、赤色カラーペースト（ＲＰＩ－
１）を得た。同様にして、表１に示す割合で赤ペースト（ＲＰＩ－２、ＲＰＩ－３、ＲＰ
Ｉ－４、ＲＰＩ－５）、緑ペースト（ＧＰＩ－１、ＧＰＩ－２、ＧＰＩ－３、ＧＰＩ－４
、ＧＰＩ－５）、青ペースト（ＢＰＩ－１、ＢＰＩ－２、ＢＰＩ－３、ＢＰＩ－４、ＢＰ
Ｉ－５）を得た。各カラーペーストの固形分濃度は８．３％に調製した。
【００８０】
Ｄ．非感光性ペースト（透明樹脂層に用いる）の作製
ポリアミック酸溶液（ＰＡＡ）  １６．０ｇをγ－ブチロラクトン  ３４．０ｇで希釈し非
感光性透明ペースト（ＴＰＩ－１）を得た。
【００８１】
Ｅ．感光性カラーレジストの作製
ピグメントレッドＰＲ１７７、８．０５ｇを３－メチル－３－メトキシブタノール５０ｇ
とともに仕込み、ホモジナイザーを用い、７０００ｒｐｍで５時間分散後、ガラスビーズ
を濾過し、除去した。アクリル共重合体溶液（ダイセル化学工業株式会社製サイクロマー
Ｐ、ＡＣＡ－２５０、４３ｗｔ％溶液）７０．００ｇ、多官能モノマーとしてペンタエリ
スリトールテトラメタクリレート３０．００ｇ、光重合開始剤として“イルガキュア”３
６９　１５．００ｇにシクロペンタノン２６０．００ｇを加えた濃度２０重量％の感光性
樹アクリル樹脂溶液（ＡＣ－１）１３４．７５ｇを加え、赤レジスト（ＲＡＣ－１）を得
た。同様にして、表１に示す割合で赤レジスト（ＲＡＣ－２、ＲＡＣ－３、ＲＡＣ－４、
ＲＡＣ－５、ＲＡＣ－６、ＲＡＣ－７）、緑レジスト（ＧＡＣ－１、ＧＡＣ－２、ＧＡＣ
－３、ＧＡＣ－４、ＧＡＣ－５、ＧＡＣ－６、ＧＡＣ－７）、青レジスト（ＢＡＣ－１、
ＢＡＣ－２、ＢＡＣ－３、ＢＡＣ－４、ＢＡＣ－５、ＢＡＣ－６、ＢＡＣ－７、ＢＡＣ－
８）を得た。各カラーレジストの固形分濃度は１７．２％に調製した。
【００８２】
【表１】
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【００８３】
Ｆ．着色塗膜の作製と評価
ブラックマトリクスがパターン加工されたガラス基板上に熱処理後の膜厚が１．０μｍに
なるように非感光性ペースト（ＴＰＩ－１）をスピンナーで塗布した。
該塗膜を、１２０℃のオーブンで２０分乾燥し、この上にポジ型フォトレジスト（東京応
化株式会社製“ＯＦＰＲ－８００”）を塗布し、９０℃で１０分オーブン乾燥した。キャ
ノン株式会社製紫外線露光機“ＰＬＡ－５０１Ｆ”を用い、フォトマスクパターンを介し
て赤、緑、青の各画素の反射用領域に透明樹脂層が残るように６０ｍＪ /ｃｍ 2（３６５ｎ
ｍの紫外線強度）で露光した。露光後、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドの
２．０％の水溶液からなる現像液に浸漬し、フォトレジストの現像、ポリアミック酸の塗
膜のエッチングを同時に行った。エッチング後不要となったフォトレジスト層をアセトン
で剥離し、２４０℃で３０分熱処理し、赤、緑、青画素の反射用領域に透明樹脂層を得た
。
【００８４】
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次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が１．５μｍになるように赤レジスト（Ｒ
ＡＣ－１）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を８０℃で１５分乾燥した。紫外線露
光機を用い、赤画素の透過用領域と反射用領域は光が透過するクロム製フォトマスクを介
して、１００ mJ／ｃｍ 2（３６５ｎｍの紫外線強度）で露光した。露光後にテトラメチル
アンモニウムハイドロオキサイドの０．１％の水溶液からなる現像液に浸漬しＲＡＣ－１
から得た着色層を現像した。現像後に２４０℃のオーブンで３０分熱処理をした。
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が１．５μｍになるように緑レジスト（Ｇ
ＡＣ－１）をスピンナーで塗布し赤画素と同様にフォトリソ加工して緑画素を得た。
次に透過用領域の画素の中央での熱処理後の膜厚が０．７μｍになるように青ペースト（
ＢＰＩ－１）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥
した。該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＢＰＩ－１からなる塗
膜との合計が、１．７μｍになるように青レジスト（ＢＡＣ－１）をスピンナーで基板上
に塗布し、該塗膜を８０℃のオーブンで１０分熱処理した。紫外線露光機を用い、青画素
の透過用領域と反射用領域は光が透過するクロム製フォトマスクを介して、１００ mJ／ｃ
ｍ 2（３６５ｎｍの紫外線強度）で露光した。露光後にテトラメチルアンモニウムハイド
ロオキサイドの２．０％の水溶液からなる現像液に浸漬し、ＢＡＣ－１およびＢＰＩ－１
から得た積層された着色層を現像した。現像後に２４０℃のオーブンで３０分熱処理をし
青画素を得た。作製したカラーフィルターの構成と使用した非感光性カラーペーストおよ
び感光性カラーレジストおよび透明樹脂層について表２にまとめた。
【００８５】
【表２】
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【００８６】
得られた画素上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴＯ
膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。得られたカラーフィルターの構
成断面図を模式的に図１に示す。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、冷陰極放電
管の３波長光源での透過用領域色度を表３に示す。なお、ここで用いた冷陰極放電管の光
源の色座標は（０．３１１，０．３２６）である。
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【００８７】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８８】
実施例２
ブラックマトリクスがパターン加工されたガラス基板上に熱処理後の膜厚が１．５μｍに
なるように非感光性ペースト（ＴＰＩ－１）をスピンナーで塗布し、実施例１と同様にフ
ォトリソ加工して反射用領域に透明樹脂層を得た。
【００８９】
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が０．７μｍになるように赤ペースト（Ｒ
ＰＩ－１）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥し
た。該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＲＰＩ－１からなる塗膜
との合計が、２．２μｍになるように赤レジスト（ＲＡＣ－２）をスピンナーで基板上に
塗布し、該塗膜を８０℃のオーブンで１０分熱処理した。紫外線露光機を用い、赤画素の
透過用領域と反射用領域は光が透過するクロム製フォトマスクを介して、１００ mJ／ｃｍ
2（３６５ｎｍの紫外線強度）で露光した。露光後にテトラメチルアンモニウムハイドロ
オキサイドの２．０％の水溶液からなる現像液に浸漬しＲＡＣ－２およびＲＰＩ－１から
得た積層した着色層を同時に現像した。現像後に２４０℃のオーブンで３０分熱処理をし
赤画素を得た。
【００９０】
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が０．７μｍになるように緑ペースト（Ｇ
ＰＩ－１）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥し
た。該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＧＰＩ－１からなる塗膜
との合計が、２．２μｍになるように緑レジスト（ＧＡＣ－２）をスピンナーで基板上に
塗布し、該塗膜を８０℃のオーブンで１０分熱処理し、赤画素と同様にＧＰＩ－１とＧＡ
Ｃ－２を同時にフォトリソ加工して緑画素を得た。
【００９１】
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が０．７μｍになるように青ペースト（Ｂ
ＰＩ－１）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥し
た。該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＢＰＩ－１からなる塗膜
との合計が、２．２μｍになるように青レジスト（ＢＡＣ－２）をスピンナーで基板上に
塗布し、該塗膜を８０℃のオーブンで１０分熱処理し、赤画素と同様にＢＰＩ－１とＢＡ
Ｃ－２を同時にフォトリソ加工して青画素を得た。
【００９２】
得られた画素上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴＯ
膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの構
成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層につ
いて表２にまとめた。また、得られたカラーフィルターの構成断面図を模式的に図２に示
す。
このようにして得られたカラーフィルターのＤ６５光源での反射用領域色度、冷陰極放電
管の３波長光源での透過用領域色度を表４に示す。なお、ここで用いた冷陰極放電管の光
源の色座標は（０．３１１，０．３２６）である。
【００９３】
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【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９４】
また表４には、同一光源（Ｃ光源）で見たときの透過用領域色度と反射用領域色度を同時
に示す。緑画素のｙ（Ｇのｙ）が０．０１１、また青画素の y（Ｂのｙ）が０．０２４異
なっており、十分違いが認識できるレベルの違いであるが、３波長冷陰極管光源で見たと
きの透過用領域色度とＤ６５光源で見たときの反射用領域色度の違いは０．００３以内と
なって違いが認識困難なレベルとなった。
【００９５】
比較例１
反射用領域に透明樹脂層を形成しないこと、青画素に透過用領域の画素中央での熱処理後
の膜厚が１．５μｍになるように青レジスト（ＢＡＣ－３）を塗布して実施例１の赤画素
と同様にして青画素を得た事以外は実施例１と同様にしてカラーフィルターを得た。
得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
ついて表２にまとめた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、冷陰極放電
管の３波長光源での透過用領域色度を表５に示す。なお、ここで用いた冷陰極放電管の光
源の色座標は（０．３１１，０．３２６）である。
【００９６】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９７】
透過用領域色度と反射用領域色度が赤画素のｘで０．０５８、緑画素のｙで０．０４４、
青画素のｙで０．０２２の差があること、および反射用領域の明るさＹが小さかった。
【００９８】
比較例２
反射用領域に透明樹脂層を１．０μｍ形成し、青画素に透過用領域の画素中央での熱処理
後の膜厚が１．５μｍになるように青レジスト（ＢＡＣ－３）を塗布して実施例１の赤画
素と同様にして青画素を得た事以外は実施例１と同様にしてカラーフィルターを得た。
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得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
ついて表２にまとめた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、冷陰極放電
管の３波長光源での透過用領域色度を表６に示す。なお、ここで用いた冷陰極放電管の光
源の色座標は（０．３１１，０．３２６）である。
【００９９】
【表６】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１００】
透過用領域色度と反射用領域領域色度が赤画素のｙで０．００７、緑画素ｙで０．０１１
、青画素のｙで０．０２８の差があった。
【０１０１】
比較例３
ブラックマトリクスがパターン加工されたガラス基板上に、透過用領域の画素中央での熱
処理後の膜厚が１．５μｍになるように赤レジスト（ＲＡＣ－１）をスピンナーで基板上
に塗布し、該塗膜を８０℃で１５分乾燥した。紫外線露光機を用い、赤画素の透過用領域
に光が透過するクロム製フォトマスクを介して、１００ mJ／ｃｍ 2（３６５ｎｍの紫外線
強度）で露光した。露光後にテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドの０．１％の
水溶液からなる現像液に浸漬しＲＡＣ－１からなる着色層を現像した。現像後に２４０℃
のオーブンで３０分熱処理をして透過用領域の赤画素を得た。
【０１０２】
次に反射用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が１．５μｍになるように赤レジスト（Ｒ
ＡＣ－３）を塗布し、該塗膜を８０℃で１５分乾燥した。紫外線露光機を用い、赤画素の
反射用領域に光が透過するクロム製フォトマスクを介して、１００ mJ／ｃｍ 2（３６５ｎ
ｍの紫外線強度）で露光した。露光後にテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドの
０．１％の水溶液からなる現像液に浸漬しＲＡＣ－３からなる着色層を現像した。現像後
に２４０℃のオーブンで３０分熱処理をして反射用領域の赤画素を得た。
【０１０３】
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が１．５μｍになるように緑レジスト（Ｇ
ＡＣ－１）をスピンナーで基板上に塗布したこと以外は比較例１の赤画素と同様にして透
過用領域の緑画素を得た。次に反射用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が１．５μｍに
なるように緑レジスト（ＧＡＣ－３）をスピンナーで基板上に塗布したこと以外は比較例
１の赤画素と同様にして反射用領域の緑画素を得た。
【０１０４】
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が１．５μｍになるように青レジスト（Ｂ
ＡＣ－３）をスピンナーで基板上に塗布したこと以外は比較例１の赤画素と同様にして透
過用領域の青画素を得た。次に反射用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が１．５μｍに
なるように青レジスト（ＢＡＣ－４）をスピンナーで基板上に塗布したこと以外は比較例
１の赤画素と同様にして反射用領域の青画素を得た。
【０１０５】
得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
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Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
ついて表２にまとめた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、冷陰極放電
管の３波長光源での透過用領域色度を表７に示す。なお、ここで用いた冷陰極放電管の光
源の色座標は（０．３１１，０．３２６）である。
【０１０６】
【表７】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１０７】
本比較例のカラーフィルターは透過用領域と反射用領域の色度の差が赤画素、緑画素、青
画素ともに０．０１１以下と小さかったが、カラーフィルターの画素を作製するために６
回のフォトリソ加工工程が必要であり、コスト増になる問題があった。
【０１０８】
実施例１、および実施例２で作製したカラーフィルターは、比較例１で作製したカラーフ
ィルターに比べ、反射用領域色度での明るさＹが大きく、液晶表示装置を作成した場合に
明るい反射表示となることが期待される。
【０１０９】
比較例２は、透明樹脂層を形成し、画素を積層させない場合のカラーフィルター作成例で
ある。赤画素については、透過用領域色度と反射用領域色度におけるｘの差は０．００１
であり、色純度はよい一致を示している。しかし、透過用領域色度と反射用領域色度にお
けるｙの差は０．００７であり、色調の違いが視認されるレベルである。また、緑画素に
ついては、反射用領域色度のｙが透過用領域色度でのｙにくらべ、０．０１１小さく、色
純度が低くなっている。さらに青画素についても、反射用領域色度のｙが透過用領域色度
でのｙにくらべ０．０２８大きく、色純度が低い。このように、透明樹脂を形成しただけ
の比較例２は反射用領域色度と透過用領域色度の色純度バランスが崩れたものである。一
方、実施例１で作製した青画素について透明樹脂を形成し、さらに着色層を積層させたカ
ラーフィルターは、青画素について、反射用領域色度のｙと透過用領域色度とのｙの差は
０．００１であり、色純度のバランスが比較例１に比べ、改善されている。また、赤画素
、緑画素、青画素、すべてについて透明樹脂を形成し、さらに着色層を積層した実施例２
で作製したカラーフィルターは、比較例１に比べ、色純度バランス、色調ともによい一致
を示している。
【０１１０】
比較例３は、実施例２と同様に優れた色純度バランス、色調ともによい一致を示している
が、カラーフィルターの画素を作製するために６回のフォトリソ加工工程が必要であり、
コスト増になる問題がある。
次に、反射用領域色度の色純度、明るさを調整した実施例を示す。
【０１１１】
実施例３
反射用領域に形成する透明樹脂層の膜厚が熱処理後に１．０μｍであること以外は実施例
２と同様にしてカラーフィルターを得た。作製したカラーフィルターの構成と使用した非
感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層について表２にまと
めた。
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【０１１２】
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射領域色度、冷陰極放電管
の３波長光源での透過領域色度を表８に示す。なお、ここで用いた冷陰極放電管の光源の
色座標は（０．３１１，０．３２６）である。
【０１１３】
【表８】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１１４】
実施例３では、反射用領域色度の色純度バランスと透過用領域色度の色純度バランスが大
きく崩れないようにしつつ、色再現範囲を拡大させることが出来た。
【０１１５】
実施例４
反射用領域に形成する透明樹脂層の膜厚が熱処理後に３．５μｍであること以外は実施例
２と同様にしてカラーフィルターを得た。作製したカラーフィルターの構成と使用した非
感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層について表２にまと
めた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、冷陰極放電
管の３波長光源での透過用領域色度を表９に示す。なお、ここで用いた冷陰極放電管の光
源の色座標は（０．３１１，０．３２６）である。
【０１１６】
【表９】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１１７】
実施例４では、反射用領域色度の色純度バランスと透過用領域色度の色純度バランスが大
きく崩れないようにしつつ、輝度を大きくすることが出来た。
【０１１８】
実施例５
ブラックマトリクスがパターン加工されたガラス基板上に熱処理後の膜厚が１．５μｍに
なるように感光性アクリル樹脂溶液（ＡＣ－１）をスピンナーで塗布した。
該塗膜を、８０℃のオーブンで１０分乾燥し、キャノン株式会社製紫外線露光機ＰＬＡ－
５０１Ｆを用い、赤、緑、青の各画素の反射用領域に光が透過するフォトマスクパターン
を介して１００ｍＪ /ｃｍ 2（３６５ｎｍの紫外線強度）露光した。露光後、テトラメチル
アンモニウムハイドロオキサイドの０．１％の水溶液からなる現像液に浸漬し、２４０℃
のオーブンで３０分熱処理し、赤、緑、青画素の反射用領域に透明樹脂層を得たこと以外
は実施例２と同様にしてカラーフィルターを得た。作製したカラーフィルターの構成と使
用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層について表
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２にまとめた。
【０１１９】
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、冷陰極放電
管の３波長光源での透過用領域色度を表１０に示す。なお、ここで用いた冷陰極放電管の
光源の色座標は（０．３１１，０．３２６）である。
【０１２０】
【表１０】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１２１】
実施例５では、反射用領域に形成する透明樹脂層を感光性レジスト（感光性アクリル樹脂
）とした場合でも、反射用領域色度の色純度バランスと透過用領域色度の色純度バランス
を調整することが出来た。
【０１２２】
実施例６
ブラックマトリクスがパターン加工されたガラス基板上に熱処理後の膜厚が１．０μｍに
なるように非感光性ペースト（ＴＰＩ－１）をスピンナーで塗布した。該塗膜を、１２０
℃のオーブンで２０分乾燥し、この上にポジ型フォトレジスト（東京応化株式会社製ＯＦ
ＰＲ－８００）を塗布し、９０℃で１０分オーブン乾燥した。キャノン株式会社製紫外線
露光機ＰＬＡ－５０１Ｆを用い、赤画素の反射用領域の４４％の面積、緑画素の反射用領
域の５０％の面積、青画素の反射用領域の６９％の面積には光が透過しないフォトマスク
パターンを介して６０ｍＪ /ｃｍ 2（３６５ｎｍの紫外線強度）露光した。露光後、テトラ
メチルアンモニウムハイドロオキサイドの２．０％の水溶液からなる現像液に浸漬し、フ
ォトレジストの現像、ポリアミック酸のエッチングを同時に行った。エッチング後不要と
なったフォトレジスト層をアセトンで剥離し、２４０℃で３０分熱処理し、赤画素の反射
用領域の４４％の面積、緑画素の反射用領域の５０％の面積、青画素の反射用領域の６９
％の面積に透明樹脂層を形成したこと以外は実施例２と同様にしてカラーフィルターを得
た。作製したカラーフィルターの構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カ
ラーレジストおよび透明樹脂層について表２にまとめた。
【０１２３】
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射領域色度、冷陰極放電管
の３波長光源での透過領域色度を表１１に示す。なお、ここで用いた冷陰極放電管の光源
の色座標は（０．３１１，０．３２６）である。
【０１２４】
【表１１】
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【０１２５】
実施例６では、着色層の積層に加え、反射用領域に対する透明樹脂層の割合を調整するこ
とでも、反射用領域色度の色純度バランスと透過用領域色度の色純度バランスを調整する
ことが出来た。
【０１２６】
実施例７
ブラックマトリクスがパターン加工されたガラス基板上に熱処理後の膜厚が１．５μｍに
なるように非感光性ペースト（ＴＰＩ－１）をスピンナーで塗布した。該塗膜を、１２０
℃のオーブンで２０分乾燥し、この上にポジ型フォトレジスト（東京応化株式会社製ＯＦ
ＰＲ－８００）を塗布し、９０℃で１０分オーブン乾燥した。キャノン株式会社製紫外線
露光機ＰＬＡ－５０１Ｆを用い、赤画素の反射用領域の５６％の面積に直径１２μｍのピ
ンホールを形成した透明樹脂層、緑画素の反射用領域の５０％に直径１２μｍのピンホー
ルを形成した透明樹脂層、青画素の反射用領域の３１％に直径１２μｍのピンホールを形
成した透明樹脂層を形成するようなフォトマスクパターンを介して６０ｍＪ /ｃｍ 2（３６
５ｎｍの紫外線強度）露光した。露光後、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド
の２．０％の水溶液からなる現像液に浸漬し、フォトレジストの現像、ポリアミック酸の
エッチングを同時に行った。エッチング後不要となったフォトレジスト層をアセトンで剥
離し、２４０℃で３０分熱処理し、赤画素の反射用領域の５６％の面積、緑画素の反射用
領域の５０％の面積、青画素の反射用領域の３１％の面積に直径１２μｍのピンホールが
形成された透明樹脂層を形成したこと以外は実施例４と同様にしてカラーフィルターを得
た。作製したカラーフィルターの構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カ
ラーレジストおよび透明樹脂層について表２にまとめた。
【０１２７】
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射領域色度、冷陰極放電管
の３波長光源での透過領域色度を表１２に示す。なお、ここで用いた冷陰極放電管の光源
の色座標は（０．３１１，０．３２６）である。
【０１２８】
【表１２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１２９】
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実施例７では、反射用領域に形成する透明樹脂層の加工方法によらず、反射用領域色度の
色純度バランスと透過用領域色度の色純度バランスを調整することが出来た。
表１２には、同一光源（Ｃ光源）で見たときの透過用領域色度と反射用領域色度を同時に
示す。赤画素のｙ（Ｒのｙ）が０．０１４、緑画素のｙ（Ｇのｙ）が０．０１１また青画
素の y（Ｂのｙ）が０．０２０異なっており、十分違いが認識できるレベルの違いである
が、３波長冷陰極管光源で見たときの透過用領域色度とＤ６５光源で見たときの反射用領
域色度の違いは０．００３以内となって違いが認識困難なレベルとなった。
【０１３０】
実施例８
ブラックマトリクスがパターン加工されたガラス基板上に実施例２と同様に反射用領域に
膜厚１．５μｍになるように透明樹脂層を形成した。
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が２．１μｍになるように赤レジスト（Ｒ
ＡＣ－４）をスピンナーで基板上に塗布したこと以外は実施例１と同様に赤画素を得た。
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が０．７μｍになるように緑ペースト（Ｇ
ＰＩ－２）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥し
た。該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＧＰＩ－２からなる塗膜
との合計が、２．２μｍになるように緑レジスト（ＧＡＣ－４）をスピンナーで基板上に
塗布したこと以外は実施例２と同様に緑画素を得た。
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が２．１μｍになるように青レジスト（Ｂ
ＡＣ－５）をスピンナーで基板上に塗布したこと以外は実施例１と同様に青画素を得た。
得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
ついて表２にまとめた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、２波長型Ｌ
ＥＤ光源での透過用領域色度を表１３に示す。なお、ここで用いた２波長型ＬＥＤ光源の
色座標は（０．３２７，０．３３１）である。
【０１３１】
【表１３】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１３２】
実施例９
反射用領域に形成する透明樹脂層の膜厚が熱処理後に１．７μｍであること以外は実施例
１と同様にして透明樹脂層を得た。
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が０．７μｍになるように赤ペースト（Ｒ
ＰＩ－２）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥し
た。該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＲＰＩ－２からなる塗膜
との合計が、２．４μｍになるように赤レジスト（ＲＡＣ－５）をスピンナーで基板上に
塗布したこと以外は実施例２と同様に赤画素を得た。
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が０．７μｍになるように緑ペースト（Ｇ
ＰＩ－２）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥し
た。該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＧＰＩ－２からなる塗膜
との合計が、２．４μｍになるように緑レジスト（ＧＡＣ－５）をスピンナーで基板上に
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塗布したこと以外は実施例２と同様に緑画素を得た。
【０１３３】
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が０．７μｍになるように青ペースト（Ｂ
ＰＩ－２）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥し
た。該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＢＰＩ－２からなる塗膜
との合計が、２．４μｍになるように青レジスト（ＢＡＣ－６）をスピンナーで基板上に
塗布したこと以外は実施例２と同様に青画素を得た。
得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
ついて表２にまとめた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、２波長型Ｌ
ＥＤ光源での透過用領域色度を表１４に示す。なお、ここで用いた２波長型ＬＥＤ光源の
色座標は（０．３２７，０．３３１）である。
【０１３４】
【表１４】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１３５】
比較例４
反射用領域に透明樹脂層を形成しないこと、緑画素の透過用領域の画素中央での熱処理後
の膜厚が２．１μｍになるように緑レジスト（ＧＡＣ－５）を塗布して実施例１の赤画素
と同様にして緑画素を得た事以外は実施例１と同様にしてカラーフィルターを得た。
得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
ついて表２にまとめた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、２波長型Ｌ
ＥＤ光源での透過用領域色度を表１５に示す。なお、ここで用いた２波長型ＬＥＤ光源の
色座標は（０．３２７，０．３３１）である。
【０１３６】
【表１５】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１３７】
透過用領域色度と反射用領域領域色度が赤画素のｘで０．０８０、緑画素ｙで０．０６８
、青画素のｙで０．０３８の差があること、および反射用領域の明るさＹが小さかった。
【０１３８】
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比較例５
反射用領域に透明樹脂層を１．５μｍ形成し、緑画素の透過用領域の画素中央での熱処理
後の膜厚が２．１μｍになるように緑レジスト（ＧＡＣ－５）を塗布して実施例１の赤画
素と同様にして緑画素を得た事以外は実施例９と同様にしてカラーフィルターを得た。
得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
ついて表２にまとめた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、２波長型Ｌ
ＥＤ光源での透過用領域色度を表１６に示す。なお、ここで用いた２波長型ＬＥＤ光源の
色座標は（０．３２７，０．３３１）である。
【０１３９】
【表１６】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１４０】
透過用領域色度と反射用領域領域色度が緑画素ｘで０．０３８差があった。
【０１４１】
比較例６
ブラックマトリクスがパターン加工されたガラス基板上に、透過用領域の画素中央での熱
処理後の膜厚が２．１μｍになるように赤レジスト（ＲＡＣ－４）を塗布したこと、反射
用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が２．１μｍになるように赤レジスト（ＲＡＣ－６
）を塗布したこと、透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が２．１μｍになるように
緑レジスト（ＧＡＣ－５）を塗布したこと、反射用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が
２．１μｍになるように緑レジスト（ＧＡＣ－６）を塗布したこと、透過用領域の画素中
央での熱処理後の膜厚が２．１μｍになるように青レジスト（ＢＡＣ－５）を塗布したこ
と、反射用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が２．１μｍになるように青レジスト（Ｂ
ＡＣ－７）を塗布したこと以外は比較例３と同様にしてカラーフィルターを得た。
【０１４２】
得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
ついて表２にまとめた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、２波長型Ｌ
ＥＤ光源での透過用領域色度を表１７に示す。なお、ここで用いた２波長型ＬＥＤ光源の
色座標は（０．３２７，０．３３１）である。
【０１４３】
【表１７】
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【０１４４】
本比較例のカラーフィルターは透過用領域と反射用領域の色度の差が赤画素、緑画素、青
画素ともに０．００５未満と小さかったが、カラーフィルターの画素を作製するために６
回のフォトリソ加工工程が必要であり、コスト増になる問題があった。
実施例８、および実施例９で作製したカラーフィルターは、比較例４で作製したカラーフ
ィルターに比べ、反射用領域色度での明るさＹが大きく、液晶表示装置を作成した場合に
明るい反射表示となることが期待される。
比較例５は、透明樹脂層を形成し、画素を積層させない場合のカラーフィルター作成例で
ある。赤画素については、透過用領域色度と反射用領域色度におけるｘの差は０．００２
であり、色純度はよい一致を示している。しかし、透過用領域色度と反射用領域色度にお
けるｙの差は０．０１３であり、色調の違いがはっきり視認されるレベルである。緑画素
については、反射用領域色度のｙが透過用領域色度でのｙにくらべ、０．０１５大きく、
色純度が高くなっている。さらに、透過用領域色度と反射用領域色度におけるｘの差は０
．０３８であり、色調に大きな違いがある。また、青画素についても、反射用領域色度の
ｙが透過用領域色度でのｙにくらべ０．０１８大きく、色純度が低い。このように、透明
樹脂層を形成しただけの比較例５は反射用領域色度と透過用領域色度の色純度バランスが
崩れ、反射用領域と透過用領域の色調についても大きく異なるものである。一方、実施例
８で作製した青画素について透明樹脂を形成し、さらに着色層を積層させたカラーフィル
ターは、青画素についての反射用領域色度のｙと透過用領域色度とのｙの差は０．００１
であり、色純度のバランスが比較例１に比べ、改善されている。また、赤画素、緑画素、
青画素、すべてについて透明樹脂を形成し、さらに着色層を積層させた実施例９で作製し
たカラーフィルターは、比較例５に比べ、色純度バランス、色調ともによい一致を示して
いる。
比較例６は、実施例９と同様に優れた色純度バランス、色調ともによい一致を示している
が、カラーフィルターの画素を作製するために６回のフォトリソ加工工程が必要であり、
コスト増になる問題がある。
次に、反射用領域色度の色純度、明るさを調整した実施例を示す。
【０１４５】
実施例１０
反射用領域に形成する透明樹脂層の膜厚が熱処理後に１．２μｍであること以外は実施例
９と同様にしてカラーカラーフィルターを得た。
得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
ついて表２にまとめた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、２波長型Ｌ
ＥＤ光源での透過用領域色度を表１８に示す。なお、ここで用いた２波長型ＬＥＤ光源の
色座標は（０．３２７，０．３３１）である。
【０１４６】
【表１８】
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【０１４７】
実施例１０では、反射用領域色度の色純度バランスと透過用領域色度の色純度バランスが
大きく崩れないようにしつつ、色再現範囲を拡大させることが出来た。
【０１４８】
実施例１１
反射用領域に形成する透明樹脂層の膜厚が熱処理後に３．７μｍであること以外は実施例
９と同様にしてカラーフィルターを得た。
得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
ついて表２にまとめた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、２波長型Ｌ
ＥＤ光源での透過用領域色度を表１９に示す。なお、ここで用いた２波長型ＬＥＤ光源の
色座標は（０．３２７，０．３３１）である。
【０１４９】
【表１９】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１５０】
実施例１１では、反射用領域色度の色純度バランスと透過用領域色度の色純度バランスが
大きく崩れないようにしつつ、輝度を大きくすることが出来た。
【０１５１】
実施例１２
透明樹脂層を形成する際に赤画素の反射用領域の４４％の面積、緑画素の反射用領域の４
５％の面積、青画素の反射用領域の６５％の面積には光が透過しないフォトマスクパター
ンを介して露光し、赤画素の反射用領域の４４％の面積、緑画素の反射用領域の４５％の
面積、青画素の反射用領域の６５％の面積に透明樹脂層を形成したこと以外は実施例１１
と同様にしてカラーフィルターを得た。
得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
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ついて表２にまとめた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、２波長型Ｌ
ＥＤ光源での透過用領域色度を表２０に示す。なお、ここで用いた２波長型ＬＥＤ光源の
色座標は（０．３２７，０．３３１）である。
【０１５２】
【表２０】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１５３】
実施例１２では、着色層の積層に加え、反射用領域に対する透明樹脂層の割合を調整する
ことでも、反射用領域色度と透過用領域色度の色純度バランスを調整することが出来た。
【０１５４】
実施例１３
実施例２と同様にして膜厚１．５μｍの透明樹脂層を得た。
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が０．７μｍになるように赤ペースト（Ｒ
ＰＩ－３）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥し
た。次に該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＲＰＩ－３からなる
塗膜との合計が、１．４μｍになるように赤ペースト（ＲＰＩ－４）をスピンナーで基板
上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥した。次に該塗膜上に透過用領域
の画素の中央での熱処理後の膜厚が、ＲＰＩ－３とＲＰＩ－４とからなる塗膜との合計が
２．９μｍになるように赤レジスト（ＲＡＣ－２）をスピンナーで塗布したこと以外は実
施例２と同様にして赤画素を得た。
【０１５５】
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が０．７μｍになるように緑ペースト（Ｇ
ＰＩ－３）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥し
た。次に該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＧＰＩ－３からなる
塗膜との合計が、１．４μｍになるように緑ペースト（ＧＰＩ－４）をスピンナーで基板
上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥した。次に該塗膜上に透過用領域
の画素の中央での熱処理後の膜厚が、ＧＰＩ－３とＧＰＩ－４とからなる塗膜との合計が
２．９μｍになるように緑レジスト（ＧＡＣ－２）をスピンナーで塗布したこと以外は実
施例２と同様にして緑画素を得た。
【０１５６】
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が０．７μｍになるように青ペースト（Ｂ
ＰＩ－３）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥し
た。次に該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＢＰＩ－３からなる
塗膜との合計が、１．４μｍになるように青ペースト（ＢＰＩ－４）をスピンナーで基板
上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥した。次に該塗膜上に透過用領域
の画素の中央での熱処理後の膜厚が、ＢＰＩ－３とＢＰＩ－４とからなる塗膜との合計が
２．９μｍになるように青レジスト（ＢＡＣ－２）をスピンナーで塗布したこと以外は実
施例２と同様にして青画素を得た。
【０１５７】
得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
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ついて表２にまとめた。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射用領域色度、冷陰極放電
管の３波長光源での透過用領域色度を表２１に示す。なお、ここで用いた冷陰極放電管の
光源の色座標は（０．３１１，０．３２６）である。
【０１５８】
【表２１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１５９】
実施例１３では、着色層を３層積層した場合でも、反射用領域色度と透過用領域色度の色
純度バランスを調整することが出来た。
【０１６０】
実施例１４
反射用領域に形成する透明樹脂層の膜厚が熱処理後に１．２μｍであること以外は実施例
１と同様にして透明樹脂層を得た。
【０１６１】
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が１．７μｍになるように赤ペースト（Ｒ
ＰＩ－５）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥し
た。該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＲＰＩ－５からなる塗膜
との合計が、３．４μｍになるように赤レジスト（ＲＡＣ－７）をスピンナーで基板上に
塗布し、該塗膜を８０℃のオーブンで１０分熱処理した。紫外線露光機を用い、赤画素の
透過用領域と反射用領域は光が透過するクロム製フォトマスクを介して、１００ mJ／ｃｍ
2（３６５ｎｍの紫外線強度）で露光した。露光後にテトラメチルアンモニウムハイドロ
オキサイドの２．０％の水溶液からなる現像液に浸漬しＲＡＣ－７およびＲＰＩ－５から
得た積層した着色層を同時に現像した。現像は、反射用領域のＲＰＩ－５からなる着色層
を除去するよう、過現像条件でおこなった。現像後に２４０℃のオーブンで３０分熱処理
し、赤画素を得た。
【０１６２】
次に透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が１．７μｍになるように緑ペースト（Ｇ
ＰＩ－５）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥し
た。該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で熱処理後の膜厚が、ＧＰＩ－５からなる塗膜
との合計が、３．４μｍになるように緑レジスト（ＧＡＣ－７）をスピンナーで基板上に
塗布し、該塗膜を８０℃のオーブンで１０分熱処理し、赤画素と同様にＧＰＩ－５とＧＡ
Ｃ－７を同時にフォトリソ加工して緑画素を得た。現像は、反射用領域のＧＰＩ－５から
なる着色層を除去するよう、過現像条件でおこなった。
【０１６３】
次に、透過用領域の画素中央での熱処理後の膜厚が１．７μｍになるように青ペースト（
ＢＰＩ－５）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜を１２０℃のオーブンで２０分乾燥
した。該塗膜の上に透過用領域の画素の中央で、ＢＰＩ－５からなる塗膜との合計が、３
．４μｍになるように青レジスト（ＢＡＣ－８）をスピンナーで基板上に塗布し、該塗膜
を８０℃のオーブンで１０分熱処理し、赤画素と同様にＢＰＩ－５とＢＡＣ－８を同時に
フォトリソ加工して青画素を得た。現像は、反射用領域のＢＰＩ－５からなる樹脂層を除
去するよう、過現像条件でおこなった。
得られた画素膜上にオーバーコート層を２．０μｍの厚みで製膜し、さらにその上にＩＴ
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Ｏ膜を膜厚０．１４μｍとなるようにスパッタリングした。作製したカラーフィルターの
構成と使用した非感光性カラーペーストおよび感光性カラーレジストおよび透明樹脂層に
ついて表２にまとめた。また、得られたカラーフィルターの構成断面図を模式的に図３に
示す。
このようにして得られたカラーフィルターをＤ６５光源での反射領域色度、２波長型ＬＥ
Ｄ光源での透過領域色度を表２２に示す。なお、ここで用いた２波長型ＬＥＤ光源の色座
標は（０．３２７，０．３３１）である。
【０１６４】
【表２２】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１６５】
実施例１４では、反射用領域の非感光ポリイミド層のみを現像時に溶解させることで、反
射用領域色度の輝度を高くすることが出来た。
（液晶表示装置の作製）
カラーフィルター基板と、金属蒸着膜などがパターニングされた半透過反射膜、半透過反
射膜上の透明絶縁膜、さらにその上にＩＴＯ膜などの透明電極が形成された半透過反射基
板とを、さらにそれらの基板上に設けられた液晶配向のためのラビング処理を施した液晶
配向膜、およびセルギャップ保持のためのスペーサーを介して、対向させてシールし貼り
あわせる。なお、半透過反射基板上には、反射膜、透明電極以外に、光拡散用の突起物、
薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）素子や薄膜ダイオード（ＴＦＤ）素子、および走査線、信号
線などを設けることができる。次に、シール部に設けられた注入口から液晶を注入した後
に、注入口を封入する。つぎに、ＩＣドライバー等を実装することにより液晶表示装置が
完成する。
【０１６６】
実施例１から７までおよび実施例１３と比較例１から３で作製したカラーフィルターを用
いた半透過型液晶表示装置について、屋外の環境光下と屋内でのバックライト点灯状態で
比較した。環境光は日中の昼間に屋外の太陽光下で表示を行い、透過表示に使用するバッ
クライト光源は光源の色座標が（０．３１１，０．３２６）である３波長冷陰極放電管を
用いた。
【０１６７】
従来の技術で作製された比較例１の液晶表示装置は透過表示と反射表示で赤、緑、青色と
もに色調、色の鮮やかさに違いが見られた。また、実施例１から７および実施例１３のカ
ラーフィルターを用いた半透過液晶表示装置に比べて、反射表示が非常に暗かった。
【０１６８】
透明樹脂層のみを形成した比較例２のカラーフィルターを使用した液晶表示装置は、透過
表示に比べ、反射表示での緑色、青色表示が薄く、透過表示時と反射表示時での画像に差
があり、違和感があった。一方、実施例１のカラーフィルターを用いた液晶表示装置は、
緑色表示では透過表示時と反射表示時の鮮やかさに差があるものの、青色の色純度差につ
いては、改善され、比較例２に比べ、良好な表示特性を示した。実施例２または実施例５
または実施例６または実施例７のカラーフィルターを用いた液晶表示装置は反射表示と透
過表示で、赤表示、緑表示、青表示いずれにおいても色純度、色調の違いがほとんどなく
比較例２に比べ、非常に良好な表示特性を示した。
【０１６９】
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実施例３のカラーフィルターを用いた液晶表示装置は、比較例２の液晶表示装置に比べ、
反射表示での明るさが若干暗く感じられたが、透過表示と反射表示での色調はほぼ同じで
、透過表示に比べ、反射表示はより色鮮やかな表示であった。
また、実施例４のカラーフィルターを用いた液晶表示装置は、比較例２の液晶表示装置に
比べ、反射表示での色の鮮やかさについては劣るものの、反射表示での明るさは明るかっ
た。さらに、透過表示と反射表示での色調の変化が少なく、良好な表示特性を示した。
【０１７０】
比較例３のカラーフィルターを用いた液晶表示装置は、実施例２のカラーフィルターを用
いた液晶表示装置と同様に透過表示と反射表示での色純度、明るさ、色調の違いがほとん
どなく良好な表示特性を示したが、カラーフィルター画素形成までに６回のフォトリソ加
工工程が必要であり、実施例２の４回のフォトリソ加工工程で作製されるカラーフィルタ
ーより製造コスト増になる問題があった。
【０１７１】
次に実施例８から１２までと実施例１４、比較例４から６で作製したカラーフィルターを
用いた半透過型液晶表示装置について、屋外の環境光下と屋内でのバックライト点灯状態
で比較した。環境光は日中の昼間に屋外の太陽光下で表示を行い、透過表示に使用するバ
ックライト光源は光源の色座標が（０．３２７，０．３３１）である２波長型ＬＥＤ光源
を用いた。
【０１７２】
従来の技術で作製された比較例４の液晶表示装置は透過表示と反射表示で赤、緑、青色と
もに色調の違いが見られたこと、および反射表示が暗かった。一方、実施例８または実施
例９または実施例１２のカラーフィルターを用いた液晶表示装置は反射表示と透過表示で
の色純度、明るさ、色調の違いがほとんどなく良好な表示特性を示した。実施例１０のカ
ラーフィルターを用いた液晶表示装置は反射表示の赤色に比べて透過表示の赤色が薄く感
じたが、緑色、青色は透過表示と反射表示での色純度、明るさ、色調の違いをわずかに感
じる表示特性を示した。実施例１１のカラーフィルーを用いた液晶表示装置は透過表示に
比べて反射表示の赤色、緑色、青色ともに薄く感じたが、反射表示がやや明るい表示特性
を示した。実施例１４のカラーフィルーを用いた液晶表示装置は、透過表示に比べて反射
表示が薄く感じたが、反射表示が非常に明るい特性を示した。比較例５のカラーフィルー
を用いた液晶表示装置は透過表示の緑色で色調の違いがあった。
【０１７３】
比較例６のカラーフィルターを用いた液晶表示装置は、実施例９のカラーフィルターを用
いた液晶表示装置と同様に透過表示と反射表示での色純度、明るさ、色調の違いがほとん
どなく良好な表示特性を示したが、カラーフィルター画素形成までに６回のフォトリソ加
工工程が必要であり、実施例９の４回のフォトリソ加工工程で作製されるカラーフィルタ
ーより製造コスト増になる問題があった。
【０１７４】
【発明の効果】
本発明は上述のごとく構成したので、反射表示と透過表示での色純度、明るさ、色調の差
が少なく、明るい半透過型液晶表示装置用カラーフィルターを安価に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の液晶表示装置の構成図
【図２】本発明の液晶表示装置の構成図
【図３】本発明の液晶表示装置の構成図
【図４】従来の液晶表示装置の構成図
【図５】従来の液晶表示装置の構成図
【図６】従来の液晶表示装置の構成図
【符号の説明】
１　：透明基板
２　：ブラックマトリックス
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３　：透明樹脂層
４　：非感光性カラーペーストからなる着色層（Ｂ：青色、Ｇ：緑色、Ｒ：赤色）
５　：感光性カラーレジストからなる着色層（Ｂ：青色、Ｇ：緑色、Ｒ：赤色）
６　：反射用領域
７　：透過用領域
８Ｂ：青画素領域
８Ｇ：緑画素領域
８Ｒ：赤画素領域
９　：オーバーコート層

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(39) JP 4001001 B2 2007.10.31



フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－１６６２８９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２８１６４８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G02F   1/1335
              G02B   5/20

(40) JP 4001001 B2 2007.10.31



专利名称(译) 用于液晶显示装置的滤色器，液晶显示装置和用于液晶显示装置的滤色器的制造方法

公开(公告)号 JP4001001B2 公开(公告)日 2007-10-31

申请号 JP2002350830 申请日 2002-12-03

[标]申请(专利权)人(译) 东丽株式会社

申请(专利权)人(译) 东丽株式会社

当前申请(专利权)人(译) 东丽株式会社

[标]发明人 野中晴支
山下哲夫
後藤哲哉

发明人 野中 晴支
山下 哲夫
後藤 哲哉

IPC分类号 G02F1/1335 G02B5/20

FI分类号 G02F1/1335.505 G02F1/1335.520 G02B5/20.101

F-TERM分类号 2H048/BA02 2H048/BA42 2H048/BB02 2H048/BB04 2H048/BB07 2H048/BB08 2H048/BB42 2H091
/FA02Y 2H091/FA14Y 2H091/FA35Y 2H091/FB03 2H091/FB04 2H091/FC01 2H091/FC10 2H091
/FD04 2H091/FD05 2H091/FD06 2H091/FD22 2H091/FD23 2H091/FD24 2H091/GA01 2H091/GA16 
2H091/KA10 2H091/LA11 2H091/LA15 2H091/LA16 2H091/LA30 2H148/BB01 2H148/BB05 2H148
/BC12 2H148/BC62 2H148/BD04 2H148/BD05 2H148/BD14 2H148/BE03 2H148/BE10 2H148/BE42 
2H148/BG05 2H148/BH03 2H148/BH05 2H148/BH28 2H191/FA02Y 2H191/FA05Y 2H191/FA06Y 
2H191/FA16Y 2H191/FA31Y 2H191/FA46Y 2H191/FA82Z 2H191/FA84Z 2H191/FA85Z 2H191/FA96Y 
2H191/FA99Y 2H191/FB02 2H191/FB12 2H191/FB13 2H191/FB14 2H191/FB22 2H191/FC02 2H191
/FC10 2H191/FC32 2H191/FC33 2H191/FC36 2H191/FD22 2H191/FD26 2H191/HA06 2H191/HA08 
2H191/HA09 2H191/HA11 2H191/HA13 2H191/LA13 2H191/LA19 2H191/NA16 2H191/NA17 2H191
/NA26 2H191/NA29 2H191/NA35 2H291/FA02Y 2H291/FA05Y 2H291/FA06Y 2H291/FA16Y 2H291
/FA31Y 2H291/FA46Y 2H291/FA82Z 2H291/FA84Z 2H291/FA85Z 2H291/FA96Y 2H291/FA99Y 2H291
/FB02 2H291/FB12 2H291/FB13 2H291/FB14 2H291/FB22 2H291/FC02 2H291/FC10 2H291/FC32 
2H291/FC33 2H291/FC36 2H291/FD22 2H291/FD26 2H291/HA06 2H291/HA08 2H291/HA09 2H291
/HA11 2H291/HA13 2H291/LA13 2H291/LA19 2H291/NA16 2H291/NA17 2H291/NA26 2H291/NA29 
2H291/NA35

优先权 2001392207 2001-12-25 JP

其他公开文献 JP2003255325A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：为半透射式液晶显示器获得一个明亮的滤色器，在反射显示器和透射显示器之间只有很小的色纯度，亮度和色调差
异。解决方案：用于液晶显示器的滤色器是包括像素中的透射区域和反射区域的滤色器，并且通过设置具有多种颜色的像素来构
造，并且其特征在于使得具有至少一种颜色的像素包括：多个层压着色层，并且还具有由光敏彩色抗蚀剂构成的最上层，并且还具
有设置在基板和反射区域中的着色层之间的透明树脂层。还提供了使用滤色器的液晶显示器和制造滤色器的方法。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4e6bd3e0-60e1-41bb-bf92-d01677fb7283
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/028677085/publication/JP4001001B2?q=JP4001001B2



